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OZET

CIMENTOSUZ DIS BITIRiS BILESIMLERI IiCIN AKRILIK YENIDEN
DAGITILABILIR POLIMER TOZU

Bu bulus, dokulu boya formiilasyonlart gibi ¢imento-olmayan dis bitiris bilesimlerinin
hazirlanmasinda kullanim icin bir suda yeniden daglabilir polimer tozu (RDP) saglar.
Aym zamanda, bu tiir RDP'leri iceren ¢imentolu olmayan dis kaplama bilesimleri ve
bdyle bir bitiris bilesimi ile bir yiizeyin kaplanmasi i¢cin bir yontem de saglanmustir.
Bulusa ait RDP, bir dis yalitim son islem sisteminin (EIFS) bir iist kaplama formiilasyonu
gibi bir dis bitiris bilesimi icine dahil edildiginde, elde edilen bilesim, akrilik lateks
tozlari ve tercihen akrilik lateksler iceren geleneksel dokulu boya formiilasyonlarina gére
1slak siirtiinmeyle asinma direncinde bir kayip olmadan gelistirilmis kir toplama direncini

saglar.
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ISTEMLER

1. Bir dis bitirig bilesimi i¢inde kullanilmak iizere ¢imentolu olmayan bir kuru karigim
formiilasyonu olup, bahsi gecen kuru karnisim formillasyon, kuru karisim
formiillasyonunun toplam agirh@ina gdre % 40 ila 80 agregat malzeme ve agirhkca % 3
ila % 30 suda yeniden daglabilir polimer tozu (RDP) igerir, ki suda yeniden dagilabilir
polimer tozu (RDP) asagidakilere sahip bir karboksil grubu iceren ¢ok agamali bir akrilik
kopolimer igerir:

(a) bir alkali ¢oziiniir regine dis asamasi ve bir veya daha fazla i¢ asama (lar);

(b) 150 ° C ila 500 ° C kaynama noktasma ve % 3.5 veya daha diigiik bir su
¢Oziinlrliigine sahip olan bir ¢ekirdeklestirici madde, ki burada suda ¢éziintirliik, oda
sicakliginda su iginde goriiniir bir sekilde ¢oziinen adi gecen gekirdeklestirici madde
miktar olarak tammlanir, kullanilan toplam agirhk veya kiitle yviizdesi olarak ifade edilir;
ve

(c) kolloidal stabilizatér,

burada, suda dagildigi zaman, bahsedilen bir veya daha fazla i¢ kademe, -40 ila 50 © C
arasinda Fox denklemi kullanmlarak hesaplanan bir cam gecis sicakhi@ina (Tg) sahip olan
bir akrilik (ko) polimeri icerir ve burada sozii edilen alkali-¢oziiniir recine dis asamasinin

bahsedilen bir veya daha fazla i¢c asama(lar)ya agirlhik oram 1: 19 ila 2:3 arasindadir.

2. Istem l'e gore cimento-olmayan kuru karisim formiilasyonu olup, burada bahsedilen
alkali-cozliniir recine dis tabakasinin bahsedilen bir ya da daha fazla i¢ kademeve

(agirhiklarina) agirlik oram 1:19 ila 1: 4 arasindadir.

3. istem I'e gbre ¢cimento-olmayan kuru karisim formiilasyonu olup, burada bahsedilen bir

veya daha fazla i¢ kademe, -20 ila 25 ° C arasinda bir Tg'ye sahiptir.

4. Istem l'e gore cimento-olmayan kuru karisim formiilasyonu olup, bu formiilasyonda,
bahsedilen ¢ok-asamali akrilik kopolimer, bir ya da daha fazla c¢ok fonksiyonlu
monomerin polimer katilar1 bazinda, agirlik¢a % 0.1 ila % 2.0 arasinda polimere edilmis

tiniteler  olarak, cok-fonksiyonlu Monomer allil metakrilat (ALMA),
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metakriloksipropiltrimetoksisilan {MATS), dimetakrilat biitilen glikol, asetoasetoksi etil

metakrilat (AAEM) ve bunlarin kombinasyonlarindan secilir.

5. Istem 1'e gore cimento-olmayan kuru karisim formiilasyonu olup, burada bahsedilen
cok-asamali akrilik kopolimer polimer katilarina gore agirlikga % 0,1 ila 1,0 arasinda bir
miktarda bir yva da daha ¢ok zincir transfer maddesi igerir; burada zincir transfer maddesi
n-dodesil merkaptan (nDDM), 3-metil merkaptopropionat (MMP) ve bunlarin

kombinasyonlarindan segilir,

6. Istem 1'e gore bir cimento-olmayan kuru karigim formiilasyonu olup, burada
bahsedilen kolloidal stabilizatér, RDP'nin toplam kuru agirhigina gore agirhkea % 2.0 ila

% 10.0 arasinda bir miktarda mevcuttur.

7. Istem l'e goére cimento-olmayan kuru karigim formiilasyonu olup, ayrica bir topak
onleyici maddenin RDP'nin toplam kuru agirh@ina gére agirhikca % 3 ila % 30 oramnda

igerir.

8. Istem l'e gore cimento olmayan kuru karnisim formiilasyonu olup, adi gecen
cekirdeklestirici madde C3 ila C10 alkil glikol eterlee; fenil glikol eterleri; C3 ila C10
alkil diglikol eterleri; C3 ila C10 alkilaril glikol eterler; C3 ila C10 alkilaril diglikol
eterleri; C3 ila C9 alkanoik asitlerin C3 ila C10 alkil esterleri; C3 ila C9 alkanedioik
asitlerin C3 ila C10 alkil esterleri; C3 ila C9 alkanoik asitlerin C3 ila Cio alkil diesterlert;
C3 ila C9 alkanedioik asitlerin C3 ila C10 dialkil esterleri; ve bunlarin kangimlarindan

secilir.

9. Istem 1'e gdre ¢cimento-olmayan kuru karisum formiilasyonu olup, bu formiilasyonda,
bahsedilen c¢ok-agsamali akrilik kopolimer, kopolimer yapmak i¢in kullamilan
monomerlerin toplam kuru agirhgma gore agirlikca % 0.1 ila % 20 oraninda
kopolimerize edilmis formda monomer ihtiva eden daha fazla karboksil grubundan biri

icermektedir.
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1. Yukarndaki istemlerden herhangi birine gore bir c¢imento-olmayan kuru karisim
formiilasyonu olup, ayrica bir veya daha fazla pigment icerir, burada adi1 gegcen pigment
(ler} kuru kartgim formiilasyonunun toplam agirlifina dayanarak agirlikca % 10'dan daha

fazla bir miktarda bulunur.

11. Istem [ ila 9'dan herhangi birine gére kuru kansim formiilasyonunu ve suyu iceren

cimentolu olmayan bir dis bitirig bilesimi.

12. istem 1l'e gore ¢imento icermeyen bir dis bitiris bilesimi olup, burada bahsedilen
kuru kansim formiilasyonu, bilesimin kuru agirhigima gore agirhkca % 10'dan fazla
olmayan bir miktarda bir veya daha fazla pigment icerir ve burada bahsedilen bitirig
bilegiminin, toplam pigment hacim konsantrasyonu (PVC) igerigi % 60 ila % 100

arasindadar.

13. Bir dis yaliim ve bitiris sisteminde (EIFS) bir iist kaplama olan, istem 11'e gire dis

bitirig bilesimi.

14. Bir dis kaplama bilesimi ile bir ylizevin kaplanmas: i¢in bir ydntem olup, bahsedilen
yontem:

a) bahsedilen yiizeve, istem 11'e g&re bir dis kaplama bilesimi uygulamak; ve

b) bahsedilen dis bitiris bilesiminin kurutulmasi veya kurutulmasina izin verilmesin,

igerir.
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TARIFNAME

CIMENTOSUZ DIS BITIRiS BILESIMLERI IiCIN AKRILIK YENIDEN
DAGITILABILIR POLIMER TOZU

Mevcut bulus, bir ¢ok katmanli dis duvar sisteminde bir iist kaplama gibi bir dokulu
boya, Ornegin ¢imentolu olmayan bir dis bitirig bilesimleri ile ilgilidir. Ayni1 zamanda, bir
RDP ve bunlarin kuru karisim  onciilerini igeren sulu dis bitiris  bilegimleri de
saglanmistir. Bu bulusun sulu dig bitiris bilesiminin bir ylizeye, drnegin bir dikey ylizeye

uygulandifi ve kurutuldugu ya da kurumaya birakildig bir yontem de saglanmustir.

Arka plan

Bir koruyucu kolloit ve topaklanma onleyici ajani gibi ¢esitli katki maddelerinin
varh@ginda bir emiilsiyon polimerinin piiskiirterek kurutulmasiyla yapilabilen cok cesitli
RDP'ler, teknolojide iyi bilinmektedir ve ticari kaynaklardan temin edilebilir. Geleneksel
RDPlerin ornekleri, bu tiir bilegsimlerin iiretilmesi icin islemlerle birlikte, ABD Patenti
No. 5,403,894, ABD Patenti No. 5,739,179, ABD Patenti No. 6,559,236 ve ABD Patenti
No. 6,624 ,243'te aciklananlarn igerir.

Di1s cephe yaliim ve bitiris sistemleri (EIFS) gibi ¢cok katmanli dis cephe sistemleri, ticari
ve konut binalaninda dis duvar ylizeyleri olarak yavgin sekilde kullamlmaktadir. Bu ¢ok
katmanli sistemler geleneksel olarak, bir yalitim malzemesi tabakas: olan bir kontrplak
veya alci levha gibi bir substrati kaplayarak, takviye edici bir érgii ile gdmiilmiis olan ve
tipik olarak bir mala ile uygulanan ve 0.1 ila 2.5 cm arasinda bir kalinliga sahip olan bir
tabaka olusturmak icin uygulanan, cimentolu olmayan bir son kat veva dis yiizey bitiris
bilesimi ile kaplanan cimentomsu bir bazkat ile yahittim malzemesini kaplayarak
hazirlanur. Bu tiir dis bitiris terkipleri sadece yalitim saglamakla kalmaz, ayni zamanda
nem girisine karsi bir bariyer gbrevi goriir ve dekoratif bir islev saglar. Bu nedenle, dis
uygulama i¢in uygun olmak iizere, bu tiir son kat veya bitiris bilesimlerinin, iyi renk

tutma, kir toplama direnci, su direnci ve aginma direnci dahil olmak iizere iyi dis
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dayamikhliga sahip olmalan gerekmektedir.

Geleneksel dis kaplama terkipleri veya dokulu boyalar tipik olarak pigmentleri ve
uzaticilan sert ve dayvamkli bir kaplamaya baglamak icin bir film olusturucu polimer
icerir. Sonug olarak, bu bitirig bilesimleri tipik olarak 1slak bir karisim halinde tedarik
edilir, clinkii polimerin kendisi bir sulu formda saglamir. Fakat, sivi malzemeyle iliskili
donma-¢6ziilme sorunlarinin ortadan kaldirilmasi ve bertaraf edilmesi i¢in, pelimer kuru
halde nakledilebilir ve kullanim noktasinda suyun eklenebilecegi bir kuru karisim

formiilasyonu olusturmak icin son bilesimin diger kuru bilesenleri ile birlestirilebilir.

RDP baglayici bilesimlerinin harici bitiris bilesimlerinde kullanimi, ©rnegin, suya
dayanikli filmler ve kaplamalarda kullanilmak iizere bir RDP bilesimi saglayan EP-A-
0721004 sayili belgede a¢iklanmaktadir. RDP, karboksil, hidroksil, karboksilamid veya
amin islevselligi iceren bir polimer ve su iginde kansimin dispersiyonunu takiben
bahsedilen polimer fonksiyonel grup ile iyonik olmayan bir bag olusturan bir reaktif
bilesen icerir. RDP igeren harici sonlandirma bilesimlerinin dier ornekleri, W(O-A-

2012/007529 ve ABD Patenti No. 6,228,937'de bulunabilir.

Fakat, bu tiir kuru kansim formiilasyonlanmn tasimm acisindan avantajli olmasina
ragmen, ticari olarak temin edilebilir akrilik RDP'leri kullanarak, bu sekilde hazirlanan
dokulu boyalar, 6. DRYCRYL™ DP-2903 (Dow Chemical Company, ABD'den ticari
olarak temin edilebilen + 10 ° C'lik bir Tg've sahip % 100 akrilik bir RDP), sivi
polimerlerden\ 6rnegin, dis bitiris terkipleri icinde kullamlmak tzere ©zel olarak
tasarlanmis olan ve EIFS sonkat formiilasyonlarinda renk haslhig ve kir tutma direnci
saglayan RHOPLEX ™ EI-2000 (Dow Chemical Company, ABD'den ticari olarak temin
edilebilen, + 12 ° Clik bir Tg'ye sahip% 100 akrilik bir polimer lateks), hazirlanan
dokulu boyalarla karsilastinldi@ginda, daha diisiik performans, dzellikle de kir ve direng

aginma direncini ve / veya 1slak asinma direncini saglar.

Bu nedenle bu bulusun bir amaci, bir dig yalittm son islem sisteminin (EIFS) bir iist

kaplama terkibi gibi bir dis bitiris bilesimine eklendiginde, akrilik lateks tozlan ve
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tercihen akrilik lateksleri iceren geleneksel dokulu boya formiilasyonlarnna gore 1slak
siirtinme direncinde (dis dayamklilifin erken bir gostergesi olarak kabul edilir) kayip bir
kayip olmadan gelistirilmis kir toplanma direnci saglar. Tercihen, dis sonlandirma
bilesimi, akrilik lateks tozlan iceren geleneksel dokulu boya formiilasyonlarina ve hatta
daha tercihen akrilik lateksleri icerenlere gdre hem kir alma direncinde hem de 1slak

asinma direncinde bir iyilesme saglar.

Bulusun Aciklamasi

Mevcut bulus ¢esitli yonleriyle birlikte ekteki istemlerde belirtildigi gibidir.

Bir birinci yoniine gdre, bu bulus, bir kullanimda kullanilmak iizere ¢imentolun olmayan
bir kuru kansim formillasyonu saglar, dis kuru bilesimi, kuru formiilasyonun toplam
agirligina gore agirlikga% 40 ila 80 oraninda bir agregat materyali ve agirhk¢a% 3 ila%
30 oramnda c¢ok asamali akrilik kopolimer iceren bir karboksil grubu iceren yeniden
dagilabilir bir polimer tozunu (RDP) igerir, bu kopolimer: bir alkali ¢6ziiniir recine dig
asamas1 ve bir veya daha fazla i¢ asama (lar); 150 ° Cila 500 ° C kaynama noktasina ve%
3.5 veya daha disiik bir suda coziinlirlige sahip olan bir ¢ekirdeklestirici madde; ve
kolloidal stabilizatore sahipdir, burada suda dagildifinda, bahsedilen bir veya daha fazla
i¢c kademe -40 ila 50 ° C arasinda Fox denklemi kullamlarak hesaplanan bir cam gecis
sicakhifina (Tg) sahip olan bir akrilik (ko) polimeri igerir, ve buradaki alkali-¢6ziiniir
recine dis tabakasinin bahsedilen bir ya da daha fazla ic kademeye (agirhiklarina) agirlik
orani 1:19 ila 2:3 arasindadir.

2. Yukandaki bulusun birinci yOniine uygun formiilasyon olup, burada bahsedilen alkali-
¢Oziinlir regine dis asamasinin bahsedilen bir veya daha fazla i¢c kademeye (agirlik) oram,
1:191la 1: 4 arasindadir; tercihen 1:19 ila 3:17 arasindadir.

3. Yukandaki birinci veya istem 2'den herhangi birine gére bir formiilasyon olup, burada
bahsedilen bir veya daha fazla i¢ kademe, -20 ila 25 ° C, tercihen -10 ila 20 ° C arasinda
bir Tg'ye sahiptir.

4. Yukanidaki istemlerden birine veya Onceki istemlerden herhangi birine gbre bir

formiilasyon olup, burada bahsedilen ¢ok asamali akrilik kopolimer polimerize birimler
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olarak, bir veva daha fazla ¢ok fonksiyonlu monomerin polimer katilanna gére agirlikca
% 0,1 ila 2,0 oraninda igerir, tercihen polifonksiyonel monomer, allil metakrilat (ALLMA),
metakriloksipropiltrimetoksisilan (MATS), dimetakrilat biitilen glikol, asetoasetoksi etil
metakrilat (AAEM) ve bunlarin kombinasyonlarindan secilir.

5. Yukandaki istemlerden birine ya da Onceki istemlerden herhangi birine gbre bir
formiilasyon olup, burada bahsedilen ¢ok-asamali akrilik kopolimer polimer katilarina
gore agirhikca % 0.1 ila % 1.0, bir ya da daha cok zincir transfer maddesi igerir, tercihen
zincir transfer maddesi n-dodesil merkaptan (nDDM), 3-metil merkaptopropionat (MMP)
ve bunlarin kombinasyonlarindan segilir.

6. Yukaridaki istemlerden birine ya da oOnceki istemlere gére bir formiilasyon olup,
burada bahsedilen kolloidal stabilizatér, RDP'nin toplam koru agirhigina gore agirhikca %
2.0 ila % 10.0 arasinda bir miktarda mevcuttur.

7. Yukandaki istemlerden herhangi birine gdre bir formilasyon olup, yukandaki 6n-
islem, ayrica bir topaklanma 6nleyici maddenin RDP'nin toplam kuru agirhina gore
agirthkca % 3 ila % 30 oraminda icerir.

8. Adi gegen cekirdeklestirici maddenin C3 ila Cio alkil glikol eterlerden secildigi,
yukandaki birinci veya daha dnceki istemlerden herhangi birine gore formiilasyon; fenil
glikol eterleri; C3 ila C10 alkil diglikol eterleri; C3 ila C10 alkilaril glikol eterler; C3 ila
C10 alkilaruil diglikol eterleri; C3 ila C9 alkanoik asitlerin C3 ila Cio alkil esterleri; C3
ila C9 alkanoik asitlerin C3 ila Cio alkil esterleri; C3 ila C9 alkanoik asitlerin C3 ila Cio
alkil diesterleri; C3 ila C9 alkanedioik asitlerin C3 ila C10 dialkil esterleri; ve bunlarin
karisimlari.

9. Yukandaki istemlerden birine ya da Onceki istemlerden herhangi birine gore bir
formiilasyon olup, burada bahsedilen ¢cok-asamali akrilik kopolimer, kopolimerlestirilmis
formda, agirhik¢a% 0.1 ila 20,

monomer ihtiva eden daha fazla karboksil grubunun bir kopolimerini yapmak icin
kullanilan monomerlerin toplam kuru agirligina dayanir.

10. Bu bulusun birinci yoniine gore bir ¢imento-olmayan kuru karisim formiilasyonu
olup, ayrica bir veya daha fazla pigment icerir, burada bahsedilen pigment (ler), kuru
karisim formiilasyonunun toplam agirligina gore agirlikca en fazla % 10 luk bir miktarda

bulunur.
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Uciincii bir yoniine gére, bu bulus, bulusun birinci vechesigindeki kuru Kkarisim
formiilasyonunu ve suyu birlestiren ¢imentolu olmayan bir dis kaplama bilesimi saglar.
12. Bu bulugun tigiincli yoniine gore cimento-olmayan bir dig kaplama bilesimi olup,
burada bahsedilen kuru kansim formiilasyonu, bilesimin kuru agirligina gore agirlikca en
fazla % 10 oraninda bir miktarda bir veya daha fazla pigment igerir, ve burada sdzi
edilen sonlandirma bilesimi % 60 ila % 100 arasmda bir toplam pigment hacim
konsantrasyonu (PVC) icerigine sahiptir.

13. Bu bulugun iigiincii yoniiniin veya istem 12'nin herhangi birine goire dis kaplama

bilesimi olup, bir dig yalitim ve bitirme sisteminde (EIFS) bir iist kaplamadar.

Dérdiincii bir ydniine gore, bu bulus bir yiizeyin bir dis kaplama bilesimi ile kaplanmasi
icin bir yéntem saglar, bahsedilen yontem asagidakileri icerir: bahsedilen yiizey tizerinde
bulusun idiciincii yoniine gire bir dis kaplama terkibi uygulamak; ve bahsedilen dis

bitirme bilesiminin kurutulmasi veya kurutulmasina izin verilmesi.

Bulusun Ayrintili Agiklamasi

Tarifnamenin tamanu boyunca, viizdeye veya afirlikca vb. herhangi bir referans, aksi
belirtilmedikce bilesimin kuru agirli@n cinsinden ifade edilir. Ayrnica, tarifnamede

belirtilen tiim araliklar kapsavici ve birlestirilebilir.

Aksi belirtilmedigi taktirde, biitiin sicakliklar ve basing iiniteleri oda sicakhigindadir ve

standart basinca {STP}) sahiptir. Belirtilen biitiin araliklar dahildir ve kombine edilebilir.

Parantezleri igeren biitiin fazlar ya tek tek dahil edilen parantez icindeki durumu ve
yoklugunu veya her ikisini gosterir. Ornegin, “(met)akrilat” fazi alternatif olarak akrilat

ve metakrilati icerir.

Burada kullamildign  gibi, “akrilik” terimi  Ornegin  akrilatlar, —metakrilatlar,
(met)akrilamidler ve (met)akrilik asitler gibi herhangi akrilik monomerlerin toplam

monomer katilanna dayanan aguliginca %50’den daha fazlasim igeren monomer
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kansimlarinin polimerizasyon Uriiniinii igeren polimerleri kasteder.

Burada kullamldi@ gibi, aksi belirtilmedigi taktirde, bir suda yeniden dagitilabilen
polimer tozunun “ortalama partikiil boyutu” fazi dagitimdaki partikiillerin agirlifinca
%5 si partikiilden daha kiiciik olacak sekilde ve dagitimdaki partikiillerin agirhiginca
%50’ si partikillden daha genis olacak sekilde lazer 151k sacma tarafindan belirlendigi gibi
toz partikiillerinin bir dagittminda bir partikiiliin en genis boyutu veya partikiil capini
kasteder. Yeniden da@itilabilen partikiiller icin, partikiill boyut dagitma lazer tarama
vasitastyla ireticinin tavsiye edilen prosedirleri basina bir Coulter™ LS 230 partikiil
boyu analiz edici kullanarak olciilmiistiir. Lazer tarama ve polarizasyon boyunca
partikiillerden tarama 15181 acinin bir fonksiyonu olarak toplamir ve biiyiik oranda bir

partikiil boyut dagitimina doniistiiriiliir.

Burada kullanildigr gibi, aksi belirtilmedigi taktirde, lateks veya emiilsiyon partikiilleri
icin “ortalama partikil boyutu” terimi ireticinin tavsiyeleri basina bir Brookhaven
Instruments Corporation 90PLUS™ partikiil boyut analiz edici (Holtsville, NY)
kullanilarak dinamik 151k tarama vasitasiyla dlciilen bir agirhik ortalama partikiil boyutunu

kasteder.

"Cam gecis sicaklign” veya "Tg", Fox denklemi [American Physical Society 1, 3 sayfa

123 (1956) 'min Biilteni] kullanilarak hesaplanan bir kopolimerin cam gecis sicakligidir.

UTy = wi/Tyay +wa/ Ty

Bir kopolimer icin wl ve w2, reaksiyon kabinda yiiklii monomerlerin agirhgina dayanan
iki monomerin agirhk kismina deginmektedir ve Tg (1) ve Tg (2), karsihk gelen iki
homopolimerin cam gegis sicakliklarii Kelvin derecede géstermektedir. Ug veya daha
fazla monomer igeren polimerler icin ek terimler (wn / Tg (n)) eklenir. Bu bulusun amaci
icin homopolimerlerin cam gecis sicaklhiklar, J. Brandrup ve EH Immergut, Interscience
Publishers, 1966 tarafindan diizenlenen "Polimer El Kitabi” nda bildirilenlerdir, Bu yaymn

belirli bir hemopolimerin Tg'sini rapor etmedik¢e, homopolimerin Tg'si diferansiyel
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tarama kolorimetresi (DSC) ile élciiliir. Bir homopolimerin cam gegis sicakhigim DSC ile
olgmek igin, homopolimer numunesi amonyak veya primer amin olmadan hazirlanir ve
muhafaza edilir. Homopolimer numunesi kurutulur, 120 © C'ye 1sitilir, hizla -100 © C'ye
sogutulur ve daha sonra veriler toplamirken 20 ° C / dakika lizinda 150 © C'ye 1sitilar.
Homeopolimer icin cam gegis sicakligi, yan yikseklik yontemini kullanarak biikiilmenin

orta noktasinda &l¢iiliir.

Burada kullamldig gibi, aksi belirtilmedigi taktirde, “molekiiler agirhk™ fazi bir
poli(stiren)standarta karg1 jel gecirgen kromatografi (GPC) tarafindan dlcuildigi gibi

agirlik ortalama molekiiler agirhgim kasteder.

Burada kullamldig gibi, “polimer” terimi bir rastgele, blok, asi, sirali veya gradyant
polimerin herhangi biri olabilir ve bir kopolimer, bir terpolimer, bir tetrapolimer, bir
pentapolimer vs gibi bir veya daha farkli monomerden yapilan bir polimeri kasteder.

Bundan dolay1, “polimer” terimi kapsami igindeki kopolimerleri ve polimerleri icerir.

Burada kullamldif gibi, “biiyiik oranda siirfaktantlardan muaf” terimi bilesimin toplam
agirhk katilarina dayanan siirfaktantin 5000ppm’sinden daha az, veya tercihen 2500

ppm’sinden daha azim iceren bir bilesim anlamina gelir.

Burada kullamldigi gibi, “suda ¢6zillme” terimi kullamlan suyun kiitlesi veya toplam
agirth@imin bir yiizdesi olarak ifade edilen, oda sicakhifinda suda goriiliir bir sekilde
¢Oziilen bir verilen materyalin miktarini kasteder. Boylelikle, 6rnegin, eger bir materyalin

5 gramm suyun 100graminda ¢éziiliirse, o materyalin su ¢cdziinlirligii %35 tir.

"Cimentolu olmayan” terimi, su ile reaksiyona giren ve suda ¢oéziinmeyen bir materyal
tiretmek icin sertlesen, kalsiyum silikat iceren malzemeler igcermeyen bilesimlere
deginmektedir. Burada kullanildigi sekliyle "esas olarak serbest” terimi, dis kaplama
bilesiminin toplam agirh@ina baglh olarak agirlik¢a % S'ten az, tercihen agirlikca % 2'den

az ve daha tercihen agirlik¢a % 1'den az anlamina gelir.
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Burada kullamldid gibi, “agirh@inca % terimi agirhk yiizdesi anlaminda kullamlir.

Bu bulugun formiilasyonlarindaki RDP, bir kolloidal stabilizator icerir. Tercihen, RDP,
RDP'nin toplam kuru agirhigia gére airlikca % 0.1 ila% 30 ve daha tercihen agirlikca %

2.0 ila % 10 arasinda bir miktarda bir kolloidal stabilizator icerir.

Tercihen, fazla yiizey aktif maddenin kullanilmasimi 6nlemek icin, RDP i¢inde toplam
kolloidal stabilizatdr miktarmin en azindan bir kismi, karboksil grubu iceren ¢cok asamali
akrilik kopolimerinin polimerizasyonu sirasinda mevcuttur. Aslinda, RDP i¢inde bulunan
toplam kolloidal stabilizor miktarinin, karboksil grubu iceren ¢ok asamali akrilik
kopolimerin polimerizasyonu sirasinda eklenmesi tercih edilir. Tercihen, RDP, monomer
katilarin toplam agirlifina bagh olarak agirhkca % 0.05 ila 15 miktarinda bir kolloidal
stabilizator icerir. Daha tercihen, kolloidal stabilizatér afirhkea % 0.1 ila % 10, hatta
daha tercihen agirlikga % 2.0 ila % 4.0 arasinda bir miktarda eklenir. Anyonik ve iyonik
olmayan yiizey aktif maddeler, polimerizasyonda, toplam suda yeniden dafmlabilir

polimer tozu katllarinin agirlikga % 0.5'inden daha az miktarlarda da kullamilabilir.

Tercihen, bu bulusta kullanilan kolloidal stabilizator, asagidakiler arasindan secilir; ¢esitli
bilinen molekiiler agirhiklarin polivinil alkolleri (PVOH) ve hidroliz dereceleri, orn.
kismen hidrolize polivinil alkoller; 6rnegin etilendiamin tetraasetat gibi kenetleme
maddeleri; poliakrilamidler; polivinilpirolidonlar; polisakaritler; polivinilsiilfonik asit,
seliiloz; seliiloz eterleri; poliesterler; ve bunlarin kansimlart. En cok tercihen kolloidal

stabilizatér PYOH'dir.

RDP bir ¢ekirdekleme maddesi icerir. Uygun ¢ekirdeklestirici maddeler, en az 150 ° C,
tercihen en az 200 ° C ve maksimum 500 ° C, tercihen maksimum 400 ° Clik bir
kaynama noktasina ve % 3.5 veya daha az, tercihen % 1.0 veya daha az, daha tercihen %
0.5 veya daha az, bir suda ¢oziiniirlige sahip olan herhangi bir bilesigi icerir. Fakat,
cekirdeklegtirici maddenin RDP ig¢inde oldugundan emin olmak ig¢in, cekirdeklestirici
ajan RDP islem kosullan alunda ugucu olmamalidir. Tercihen, RDP igindeki

cekirdeklestirici maddenin toplam miktar, karboksil grubu igeren ¢ok asamali akrilik
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kopolimerin polimerizasyonu sirasinda mevcuttur. Tercihen, akrilik kopolimer agirlikca
% 0.1 ila % 4.0, daha tercihen agirlikca % 0.5 ila % 3.0, yine daha tercihen agirlik¢ca %
1.0 ila % 2.0 ¢ekirdekleyici madde (ler) icerir. Bu niiklear ajanlar tercihen, cok agamali
karboksil grubu igeren akrilik polimerin kopelimerizasyonunun ilk safhasi sirasinda veya
alkali ¢Oziinebilir recine safhasini olusturmak icin polimerizasyondan Once veya sirasinda
dahil edilir. Yeniden daglabilirligi gelistirmek i¢in kopolimerizasyon sirasinda tercihen

yiizey aktif maddeler yerine ¢ekirdeklestirici maddeler kullanilir.

Tercihen cekirdeklestirici madde C3 ila C10 alkil glikol eterler; etilen glikol fenil eter
gibi fenil glikol eterler; Dipropilen glikol n-butil eter gibi C3 ila C10 alkil diglikol eterler;
Etilen glikol oktilfenil eter gibi C3 ila C10 alkilaril glikol eterler; Dipropilen glikol
bittilfenil eter gibi C3 ila C10 alkilaril diglikol eterler; 2,2.4-trimetil-1,3-pentandiol
monoizobutirat gibi alkil izobutiratlar ve dallanmug alkil izobiitiratlar gibi C3 ila C9
alkanoik asitlerin C3 ila C10 alkil esterleri; Butil siiksinat gibi C3 ila C9 alkanedioik
asitlerin C3 ila Cio alkil esterleri; 2,2-dimetil-1-metiletil-1,3-propanediil bis-2-metil
propiyonat gibi C3 ila C9 alkanoik asitlerin C3 ila C10 alkil diesterleri; ve diizobutil
glutarat, diizobutil siiksinat, diizobutil adipat gibi C3 ila C9 alkanedioik asitlerin C3 ila
CI10 dialkil esterleri; ve bunlann kansimlann arasindan secilir. Daha tercihen,
cekirdeklestirici madde, dogrusal veya dallanms alkil izobutiratlardan secilir. Uygun

¢ekirdeklestirici maddelerin 6rnekleri, asagidaki Tablo I'de gdsterilmistir.

Tablo 1.0: Cekirdeklendirici Maddeler

Cekirdeklendirici Madde BP(°C) H,0 Coziilebilir*
2.2-dimetil-1-metiletil-1,3-propanediil bis-2-metil propionate 344 Gozard: edilebilir
diisobutil glutarate (%35-65), diisobutil siiksinat {%15-23);

diisobutil adipate (%10-25) 274-289 Gozard: edilebilir
etilene glikol fenil eter (DALPAD™' A) 244 2.5%

etilene glikol fenil eter (DOWANOL™ ' EPh) 244 3.1%

2,2 A-trimetil-1,3-pentanediol monoisobutirat 254 0.1%

propilen glikol fenil eter 243 2.0%
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dipropilen glikol n-butil eter 230 4.5%

etilene glikol oktilfenil eter 250 Gozardi edilebilir

1. Dow Chemical Co., Midland, MI

RDP, bir alkali ¢oziiniir recine dis asamasina ve bir veya daha fazla i¢c asamaya (fazlara)
sahip cok asamal1 akrilik kopolimer iceren bir karboksil grubunu icerir. Tercihen, akrilik
kopolimer ayrica, yukarida tarit edildigi gibi bir ¢ekirdek olusturucu madde ve / veya bir

kolloidal stabilizatér icerir.

Tercihen, ¢ok-asamali akrilik kopolimer, bir veya daha fazla karboksil ihtiva eden
monomerin, s6zi edilen kopolimeri yapmak icin kullanilan monomerlerin toplam
agirhgina dayanarak, agirikca % 0.1 ila % 20 polimerize formda igerir, Daha tercihen,
kopolimer agirlikca % 0.5 ila % 5.0, yine daha tercihen agirhikca % 1.0 ila %3.5 oraninda
bir veya daha fazla karboksil iceren monomer icerir. Uygun karboksil igeren monomerler
arasinda aknlik asit, metakrilik asit, itakonik asit, maleik asit, fumarik asit, akrilik
anhidrit, metakrilik anhidrit, maleik anhidrid / fumarik / itakonik, maleik anhidrit ve
itakonik anhidrit yan esterleri bulunur. Tercihen, karboksil iceren monomer (met) akrilik
asittir.

Cok asamal akrilik kopolimer, bir alkali ¢éziiniir re¢ine dis asamasim ve bir veya daha
fazla i¢c asamay1 icerir. Suya yerlestirildiginde, i¢ tabaka, Fox denklemi kullamilarak
hesaplanan bir cam gecis sicakligina (Tg) sahip bir akrilik (ko) polimeri icerir, -40 ila 50
° C, tercihen -3( ila 35 ° C, daha tercihen -20 ila 25 ° C arasinda ve yine daha tercihen -
10 ila 20 ° C arasindadir.

Alkali-¢oziinir recine dis asamasinin bir agirlik orani cinsinden ifade edilen nispi oranti,
bir veya daha fazla i¢ kademe / asamaya, 1:19 ila 2: 3 arasindadir. Tercihen, alkali-
¢Oziinlr regine dis agamasinin bir veya daha fazla i¢ asamaya (agirhiklarina) agirlik orani

1:191la 1: 4, daha da tercihen 1:19 ila 3:17'dir.
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Cok-asamal akrilik kopolimer, polimer partikiiliiniin dis tarafinda yer alan alkali-¢dziiniir
recine asamasi ile, ya bir asilama va da fizyosorbsiyon sonucu su icinde bir ¢ekirdek /
kabuk yapisi olugturur. Boylece, kopolimerdeki karboksil gruplan yeniden dagilabilir
kopolimer toz parcaciklarimin yiizeyinde bulunur. Bir cekirdeklestirici ajamin dahil
edilmesi ¢ok agsamali akrilik kopolimer partikiilin i¢ asamasinin (tabakalarinin) alkali
¢Ozliniir recineyle kaplanmasim saglamaya yardimei olur ve bdylece, ¢ekirdegin kelloidal
stabilizasyonunu gelistirir. Ek olarak, cok asamali kopolimer iiretiminden ylizey aktif
madde ihtiyacinin azaltilmasi veya ortadan kaldirilmasi, RDP'deki akrilik kopolimerin i¢
asamasin (kollarini) kolloidal olarak stabilize etmeye yardimci olan nispeten daha biiytik

partikiil boyutu alkali ¢6ziiniir re¢ineyi miimkiin kilar.

Cok-agamali akrilik kopolimerleri, ABD Patent No. 5,403,894'te tarif edildigi gihi
geleneksel emiilsiyon kopolimerizasyon teknikleri kullamlarak, ancak alkali ¢dziiniir
recineden kopolimerizasyon bir c¢ekirdeklestirici madde varlifinda ve tercihen,
Siirfaktanlar énemli dlciide icermeyen bir polimerizasyon kanisiminda, iiretilir, Persiilfat
tuzlart ve / veya redoks baslaticilar gibi geleneksel termal polimerizasyon baslaticilari,

ornegin bisiilfit tuzlar olan peroksitler kullanilabilir.

Genel olarak iki kopolimerizasyon teknigi kullamlabilir; ve ancak bir polimerizasyon
asamasi, polimer asamalarini bir arava getirmek i¢in ¢ok islevli bir monomer igerir.

Teknik bir, bir alkali ¢oziiniir recinenin olusturulmasi i¢in ¢ok islevli bir monomerin
varh@inda bir alkil (met) akrilat, stiren, alkil ile ikame edilmis stiren, (met) akrilamid
veya hidroksialkil (met) akrilatgibi bir etilenik olarak doymamig karboksilik asit veya
anhidrit ve bir veya daha fazla iyonik olmayan monomerin bir monomer Kkarisimimni
emiilsiyon polimerize etmeyi, bir amin bazi ile alkali ¢ziiniir recineyi notralize etmeyi,
ikinci asamada, bir veya daha fazla iyonik olmayan monomerin bir monomer karisiminin
olusturulmasini, ikinci asama monomerlerin alkali ¢cdziiniir recineyle birlestirilmesini ve
mevcut bulusun kopolimerlerini olusturmak icin monomer karigimint polimerize etmeyi
icerir. Bu tekni@in bir varyasyonunda, ¢ok islevli monomer, ikinci agama monomer

karisiminin bir par¢asidur, alkali ¢dziinebilir recineyi olusturan monomer karigimint degil,
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ve de, i¢c asamali polimeri olusturmak {izere notrlestirilmis alkali ¢dziinir reginenin

varhiginda polimerize edilir.

ABD Patenti No. 4,916,171'de tarif edildigi gibi bir ikinci polimerizasyon teknigi, bir i¢
agsamall polimer olusturmak iizere bir ¢ok fonksiyonlu monomerin varlifinda bir veya
daha fazla iyonik olmayan monomerin bir monomer karisimim polimerize eden
emiilsiyon ve daha sonraki bir asamada, bir etilen acisindan doymanus karboksilik asit
veya anhidrit ve bir veya daha fazla noniyonik monomerin bir monomer karigiminin
olugturulmast ve monomer karisiminin i¢ evre ile birlestirilmesi ve kopolimer olusturmak
fizere karigtmin polimerize edilmesini icerir. Bir alkali ¢oziinebilir recine agamasi oldugu
siirece, c¢ok-asamali kopolimerleri yapmak i¢in c¢ok-fonksiyonlu bir monomerin
eklenmesiyle birlikte ilave noniyonik monomer asamalart kopolimerlestirilebilir.
Polimerizasyonda, her asamadaki sicaklik 20 ila 105 ° C arasinda veya tercihen 50 ila 95

? C arasinda olabilir.

Bir veya daha fazla iyonik olmayan veya i¢ asamali kopolimerlerin alkali ¢6ziiniir regine
polimerine toplam katilannin ortaya ¢ikan agirhik oram 19: 1 ila 3: 2 veya tercihen 19: 1
illa 1: 4 arasinda olabilir veya daha tercihen 19: 1 ila 3: 17'dir. Herhangi bir
polimerizasyonda, baslangic asamasi geleneksel véntemlere gire tohum polimerizasyonu
ile olusturulabilir.,

Cok asamal1 akrilik kopolimerlerin hazirlanmasi i¢in uygun iyonik olmayan monomerler,
etil akrilat, biitil akrilat, 2-etilheksil akrilat, metil metakrilat, etil metakrilat, biitil
metakrilat, metillenmis (met) akrilamid ve metil metakrilamid, hidroksietil (met)
akrilattan secilir. Iyonik olmayan monomerler, monomer iceren herhangi bir hidroksialkil
veya metillenmis monomer veya amid grubunun afirbk¢a % 5 veya daha azim
olusturmalichr. Siradan tecriibeli bir kisi, istenen bir Tg'ye sahip olan bir polimer asamasi

veren iyonik olmayan monomerlerin nasil segilecegini bilir.
Uygun polifonksiyonel monomerler (a) iki veya daha fazla doymamislik bélgesine sahip,

ornegin alil, mehallil-, vinil-, disiklopentenil ve akrilik krotil esterleri ve metakrilik asitler

gibi ¢ok etilenik monomerlerden, dietilenglikol dimetakrilat gibi divinil benzen (poli)
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glikol di (met) akrilatlar; ve trimetilolpropan trimetakrilat gibi poliol po- {met} akrilatlar;
(b) drnegin bromotriklorometan gibi iki veya daha fazla ayrilmaz atomu olan reaktif
zincir transfer maddeleri; bromoform; karbon tetrakloriir; ve karbon tetrabromiir; ve (c)
bir veya daha fazla doymarmslik bélgesine ve drnegin alil-, mehallil- ve krotil-merkaptan
gibi bir veya daha fazla ayrilmaz atomlara sahip olan hibrid ¢cok fonksiyonlu monomerler;
vinil eterler ve sikloalkenoller ve sikloalken tiyollerin vinil tivoeterlerden olusabilir.
Tercih edilen ¢ok islevli monomerler arasinda, akrilik asit ve metakrilik asidin allil ya da
methallil (met) akrilat, N-metatil vinil-amidleri; ve allil-merkaptan bulunur. Kullanigh
polifonksiyonel monomer miktarlari, kullamilmakta olduklari monomer karisimindaki
monomerlerin toplam agirh@ina gore % 0,01 ila % 5 arasinda veya tercihen agirlik¢a %

0.25 1la % 3.0 arasindadir.

RDP, cok asamali akrilik kopolimer iceren karboksil grubu ile harmanlanmms baska
polimerler icerebilir. Bu gibi baska polimerler, 6rnegin, bir poliolefin, olefin-vinil ester,
ornegin etilen-vinil asetat, alkil (met) akrilatlar, stiren veya stiren akrilik kopolimerleri
gibi herhangi bir noniyonik (ko) polimer olabilir. Karigimlar, RDP de toplam polimer
katilarina gore agirlikca % 20 ila % 80 veya tercihen agirlikca % 30 ila % 70 veya daha

tercihen agirlikca % 40 ila %60 oraninda noniyonik (ko) polimer icerebilir.

RDP, kopolimeri yapmak i¢in kullanilan monomerlerin toplam agirh@ina gore agirlikca%
0.001 ila % 5 oramnda, veya tercihen agirlikca % 0.1 ila 1.0 oraninda bir monoemer iceren
bir silil grubunun, y-metakriloksipropil trimetoksi silan veya vinil trialkoksi silanlar veya
vinil benzofenon gibi monomer iceren bir benzofenon gibi, ilave kopolimerizasyon iiriini

olan polimerler icerebilir.

Tercihen, RDP ayrica bir Onleyici madde igerir. Varsa, RDP'ye dahil edilen toplam
tnleyici madde miktarr, RDPnin toplam kuru agirh@na gore agirhikca % 3.0 ila % 30.0,
tercihen agirhik¢ca % 8.0 ila % 15.0 arasindadir. Tercihen, nleyici madde, kaolin kili,
aliimina silikat, dolomit, kalsiyum karbonat, dolomit, silikat mineralleri ve bunlarnn
harmanlarindan secilir. Daha cok tercihen, 6nleyici madde, kaolin kili, aliimina silikat ve

bunlanin kombinasyonlarindan secilir. Tercih edilen alumina silikatlar, MINEX ™
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Endustriyel Simif No. 16 ila 60 arasindadir, yani 1.18 mm'den (# 16) daha kiigiik, tercihen
150 pm'den (# 60) az bir gézenekli parcacik boyutuna sahip silikon dioksit, aliminyum
oksit, demir oksit ve sodyum oksit, kalsiyum oksit, magnezyum oksit ve sodyum oksit

iceren bilesimlerdir.

Ek olarak, RDP, drnegin toplam kati maddelere gére tipik olarak agirlikca % 1.5'e kadar
bir miktarda mevcut olan bir képik oOnleyici madde gibi diger geleneksel katki
maddelerini icerebilir. Geleneksel miktarlarda kullanilabilen diger katki maddeleri
arasinda  CaCl2, MgCl2, monosakkaritler, disakkaritler, dagucilar veya

siiperplastiklestiriciler gibi bir veya daha fazla tuz bulunur.

Tercihen, suda yeniden dagilabilir polimer tozlarimin su ile yeniden dagilabilirliginin
arttinlmas icin, sulu kopolimer dispersivonunun esasen kurutulmasindan dnce bazik bir
bilesik eklenebilir. Bazik bilesik, kopolimerdeki karboksilik gruplarin molii bagina 0.4
mol veya daha fazla, tercihen 0.5 ila 2 mol, daha tercihen 0.6 mol veya daha fazla bir
miktarda polimerizasyondan ©nce, sirasinda veya sonrasinda ilave edilebilir. Bazik
bilesik, sulu kopolimer iiriiniiniin pH degerini 8.0 veya daha fazla veya 9.5 veya daha
fazla veya tercihen en az 10.5 ve tercihen 12.5%¢ avarlamak i¢in bu kadar bir miktarda
cklenebilir. Bazik bilesik, inorganik bir bazik bilesik, tercihen alkali metal hidroksit gibi
giiclii bir inorganik bazik bilesik veya kalsiyum hidroksit, magnezyum hidroksit, sodyum

hidroksit veya potasyum hidroksit gibi bir alkali toprak metal hidroksit olabilir.

RDPnin ortalama parcacik boyutu 50 ila 500 nm, tercihen 100 ila 400nm veya daha

tercihen 163 ila 350 nm arasinda olabilir.

Tercihen, RDP'de bulunan ¢ok asamali akrilik kopolimer ve cekirdeklestirici ajanin
toplam miktari, RDP'nin toplam kuru agirhgina gére agirlikca % 40 ila % 99.9'dur. Daha
cok tercihen, c¢ok asamali akrilik kopolimer ve cekirdeklenmenin toplam miktari,

RDPin toplam kuru agirligina gore agirlikca % 50 ila % 96.9'dur.
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RDP, cok-asamali akrilik kopolimer iceren karboksil grubunu ve gerekirse ek kolloidal
stabilizorii ve / veya istege bagh herhangi bir bileseni, ornegin bir topaklanma 6nleyici
ajanini iceren bir sulu karisimin kurutulmasiyla olusturulur. Tercihen, sulu karisimin
kurutulmasi sprey kurutma icerir. Piskiirterek kurutma, geleneksel sprey kurutma
tesislerinde gerceklestirilebilir, atomizasyon, tek-akigkan, iki-sivi ya da cok-akish
memeler va da bir doner disk atomizorii vasitasiyla gerceklestirilir. Genel olarak, kurutma
gaz1 olarak hava, nitrojen veya nitrojen bakimindan zenginlestirilmis hava kullanilabilir,
genellikle kuruyan gazin giris sicakligi, genellikle 200 © C'yi, tercihen 110 ° C'den 180 °
C'yi, daha tercihen 130 ° C'den 170 ° C'yi agmaz. Cikis sicakhify, bitkiye, recinenin
Tg'sine ve istenen kurutma derecesine bagl olarak genellikle 45 ° C ila 120 ° C, tercihen
60 ° C ila 90 ° C arasinda olabilir. Bir émekte, pliskiirtiilerek kurutulacak olan yemin
viskozitesi kati madde icerigi ile ayarlanabilir, boylece 1000 mPas'den (20 rpm'de
Brookfield viskozitesi ve tercihen 23 mC), tercihen 250 mPas'dan daha diisiik bir deger
elde edilir. Piiskiirtmeyle kurutulacak olan katkinin kat:1 icerigi genellikle dispersiyonun

toplam agirh@ina gore agirhkca % 25 ila % 60, tercihen agirhikga % 35 ila % 50 olabilir.

RDPlerin ¢esitli kullanimlan vardir. RDP'ler, bir dis yaliim ve bitirme sisteminde (EIFS)
kullamilmak iizere 6rnegin bir dokulu ve istege bagh olarak pigmentli bir fist kaplama
formiilasyonu gibi ¢ok cesitli ¢imento-olmayan dis bitiris bilesimlerinde islevsel katki

maddeleri olarak bulusta kullanilmaktadar.

Bu bulus, kuru karisim formiilasyonunun toplam agirh@ina gére agirlikca % 40 ila 80
arasinda degisen, dig bitiris terkipleri icinde kullanilmak {izere ¢imento-olmayan kuru
karisim formiilasyonlar1 sunmaktadir. Bir agrega malzemesinin % 'si ve yukanda tarif

edildigi gibi bir RDPnin agirlik¢ca % 3 ila 3(0'udur.

Burada kullamldign sekliyle "agrega malzemeleri”, sonucta ortaya ¢ikan dis kaplama
bilesiminin, tercihen bir kumun veya daha fazla tercihen silikon dioksit iceren bir kumun
kuru bir katmanina yiizey dokusu veren herhangi bir malzemeyi ifade eder. Tercihen,
agregat materyal, formiilasyonun kuru agirligina gore agirlikca % 50 ila 70 arasinda bir

miktarda mevcuttur.
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Tercihen kuru karisim formiilasyonu ayrica bir pigment icerir. Pigment, inorganik bir
pigment, drn. bir titanyum, aliiminyum, kobalt, bakir, demir, krom, kursun, manganez,
titanyum veya kalay pigmenti veya pigment bir organik pigment, 6rn. karbon siyahi
olabilir. Tercihen, pigment bir inorganik pigmenttir, daha tercihen bir titanyum
pigmentidir ve en ¢ok tercihen titanyum dioksittir (TiO2). Mevcut oldugunda, kuru
karisim formiilasyonu tercihen kuru karisim formiilasyonunun toplam agirh@ina gore
agirlikca en fazla % 19, tercihen agirlikca % 1 ila % 10 arasinda bir miktarda pigment

(ler) igerir.

[stege bagh olarak, mevcut bulusun kuru karigim formiilasyonu ayrica bir veya daha fazla
dolgu maddesi veya genisletici parcacik icerir. Bu dolgu veya genisletici parcaciklar,
terkip kompozisyonuna opaklik saglamak igin dahil edilir. Eger varsa, dolgu maddesi
veya genisletici parcaciklar tercihen formiilasyonun kuru agirliga gore agirlikca % 2 ila%
30, daha tercihen afirhkca % 4 ila % 25, daha da tercihen agurhikca % 10 ila % 15
miktarinda dahil edilirler. Tercih edilen dolgu maddesi veya genigletici lrunler, kil,
kalsiyaum karbonat, silikatlar, ©zellikle aliimina silikatlar, talklar, dolomit, silikat
mineralleri ve bunlarin kombinasyonlarindan segilir. En ¢ok tercihen, dolgu veya
genigletici parcaciklar kalsiyum karbonat, silikatlar ve bunlarin kombinasyonlarindan

secilir.

Bir basgka yoniine gore, bu bulus, bulusun kuru karisim formiilasyonunu ve suyu igeren,
cimentolu olmayan bir dig kaplama hilesimi saglar. Tercihen, son bilesim, bir veya daha
fazla pigment (ler) igerdiginde, bilesim, % 60 ila % 100 arasinda bir toplam pigment
hacim konsantrasyonu (PVC) icerigine sahiptir. $iipheye mahal vermemek i¢in PVC,
agagida belirtilen formiil kullanilarak hesaplanir, burada Viigmen. bilesim icindeki
pigment hacmini temsil eder ve Vbinder, bilesim i¢indeki polimerik baglayicinin hacmini

temsil eder.
PVC (%) - Vpigmcnl / (ijg[ncnl + thg]aylcl) X 100
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Tercihen, dig bitirme bilesimi, dig bitiris bilesiminin toplam agirhiZina dayah olarak
agirhikca % 10 ila % 30 oraminda su igerir. Tercihen, dig bitirme bilesimi, bir dig yalittm

ve bitirme sisteminde (EIFS) bir iist kaplamadir.

Yukarida belirtilen bilegenlere ek olarak, bulusun dis kaplama bilesimi bir veya daha
fazla baska bilesen icerebilir. Tercih edilen diizenlemelerde, dis bitirme bilesimi ayrica
bir ilave, yani RDP olmayan, kolloidal stabilizatér icerir. Bu gibi diizeneklerde kolloidal
stabilizator tercihen toplam polimer katilarina dayanan, agirlikca % 20'den fazla olmayan,
daha tercihen agirlikca % 5'ten fazla olmayan bir miktarda bulunur. Uygun ve tercih

edilen kolloidal stabilizattrler yukarida belirtildigi gibidir.

Tercihen, dis bitirme bilesimi ayrica bir hidrofobik madde icerir. Daha tercihen,
hidrofobik madde, en az 8, daha tercihen en az 12 karbon atomu, bir aril veya bir arilalkil
grubu veya tuzlari, tercihen sodyum, cinko, kalsiyum, potasyum iceren bir dogrusal veya
dallanmms alkil grubu iceren ester veya siilfonat bilesiklerinden veya bunlann amonyum
tuzlarindan secilir. Daha da tercihen, hidrofobik madde, sodyum lauril siilfat (SLS),
sodyum oleat, sodyum stearat, sodyum dodesilbenzensiilfonat veya bunun bir ¢inko,
kalsiyum, potasyum veva amonyum tuzundan secilir. Daha da tercihen, hidrofobik bilesik
SLS'dir. Bu diizenlemelerde, hidrofobik madde tercihen toplam polimer agirlifina dayal
olarak, bilesimin toplam kuru agirh@na gére agirlikca % 0.1 ila % 10, daha tercihen

agirhikca % 0.5 ila % 7.5 arasinda bir miktarda bulunur.

Bu bulusun dis bitirig bilesimleri ve kuru kangim formiilasyonlar, yukarida tanimlanan
bilesenlere ek olarak, ©rnedin reoloji modifive ediciler, kivam arttiricilar, kopiik
gidericiler, yapiskanlik arttiricilar, benzofenon, keruyucular, biyositler, kiifositler ve /
veya antifriz maddeleri gibi UV stabilizatorler gibi bir veya daha fazla geleneksel katki

maddesi icerebilir, hepsi teknikte 1yi bilinen ve ticari kaynaklardan temin edilebilir.

Bir bagka yoniine géire, bu bulus bir yiizeyin bir dis kaplama bilesimi ile kaplanmasi icin

bir yontem saglar, bahsedilen yontem asagidakileri igerir: bahsedilen yiizey tizerinde
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bulusun iiciincii yoniine gire bir dis kaplama terkibi uygulamak; ve bahsedilen dis

bitirme bilesiminin kurutulmasi veya kurutulmasina izin verilmesi.

Bulusun bazi diizenlemeleri simdi sadece Ornekleme vyoluyla acgiklanacaktir. Aksi
belirtilmedikce tlim oranlar, pargalar ve yiizdeler kuru agirlikla ifade edilir ve aksi

belirtilmedikge tiim bilesenler iyi ticari kalitededir.

Asagida Tablo 2'de gosterildigi gibi, Orekler'de cok asamal akrilik kopolimerleri

hazirlamak icin asagidaki malzemeler kullamldi:

Tablo 2
Isim Kompozisyon ve Kaynak
MOWIOL ™ 4-88 Cozelti polivinil alkol (% 86.7 ila% 88.7 hidrolize, MW ~31K (agirlik¢a% 20) *
PLURONIC ™ L-31 etilen oksit-propilen oksit-etilen oksit blok kopolimer®
TEXANQL ™ 2,2 4-trimetil-1,3-pentandiol monoizobutirat®
TRITON ™ 1 X-15 etilen glikol oktilfenil eter; HLB = 1,5
VERSENE ™, EDTA, tetrasodyum tuzu'
WINNOFIL ™ -S Stearik asitle kapli CaCO;

'Dow Chemical Co., Midland, MI; 2Kuraray America, Inc., Houston, TX; *Eastman Chemical, Kingsport,
TN; *BASFAg Florham Park, NJ; “Solvay Advanced Functional Materials, Houston, TX

Ornek | - Polimer Sentezi: A'dan R'ye kadar olan emiilsiyonlarin her biri, alkali ¢oziiniir
recinenin, alkali ¢Oziiniir recinenin mevcudiyetinde polimerize edilmeden oOnce, alkali
¢Oziinebilir re¢inenin hazirlandi8r ters bir iki asamali islemle yapildi. Emiilsiyonlar A, C,
D, J ve K, ¢ok islevli veya capraz baglanan monomerler ve / veya zincir transfer
ajanlarimin varlifinda veya yoklugunda termal baglaticilar kullanilarak hazirlanirken,

Emiilsiyonlar B, E ila I ve L ila R redoks baglaticilar kullanilarak yapilda.

Emiilsiyon A: Mekanik karistirici, termokupl, kondenser ve paslanmaz celik besleme
portlar ile donatilmig 5 Llik bir reaktdre 473 g deiyonize (DI} su yiiklenmistir ve 85 °
C'ye 1sinllmigtir. Sicak oldugunda, asagidaki Tablo 3.1'de gosterildigi gibi bir monomer
emilsiyonu (ME), bir FMI (Fluid Meter Incorporated, Syosset, NY) pompasi ile
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maksimum hizda reaktore -15 dakika zarfinda aktanlmistir. Daha sonra reaktore ilave
35¢ DI su ile durulama eklendi. Reaktor sicakligr 50 ° C'de, Tablo 3.1'de gosterildigi gibi
ii¢ ayn sulu sodyum siilfoksilat formaldehit (SSF), tert-butil-hidroperoksit (tBHP) ve

demir siilfat heptahidrat ¢ozeltileri reaktdre sirayla eklenmistir.

Bir ekzotermik reaksiyon 2-3 dakika icinde, 15 dakikada 90 ° C'ye kadar kademeli olarak
artmigtir. Sicaklik zirveden sonra, rezidilel monomeri azaltmak icin reaktore tBHP ve
SSF'den olusan iki sulu kovalayici soliisyonu eklenmigtir. 10 dakika sonra bir kisim
alinmis ve 372 nm (BI90 art1), 222 ppm MMA ve pH 2.39 i¢in analiz edilmigtir. Elde
edilen lateks, bir yan seffaf ¢ozelti ve bir pH 11 ile hafif ¢oziiniir kopolimer elde etmek
icin sulu sodyum hidroksit ve kalsiyum hidroksit ¢dzeltisinden olusan bir ndtrlestirici

¢ozeltisi ile iglendi.

Tablo 3.1
ME Adirhk (g)
Dl su 373
EDTA, tetrasodyum tuzu 0.045
sodyum dodesilbenzensiilfonat (NaDBS) 1.17
Texanol 30.6
metil metakrilat {MMA) 240.0
alil metakrilat (ALMA) 4.66
buzul metakrilik asit (MAA) 61.2
metil 3-merkapto propionat (MMP) 10.69
Cozeltiler
Aktive edici Ad. (g) Baglatic Ad. (g) Promoter Ad. (9)
SSF 3.89 tBHP 6.02  FeS04-7 H0 0.023
DISu 37 DISu 28 DI Su 21
Takip eden Aklive edici
SSF 0.44 BHP 0.63
DISu 15 DISu 24
Notrlestirici {Asama 1) Ad. {9)
DI Su 151
sodyum hidroksit {(agirlikga% 50 su) 36.9
kalsiyum hidroksit 17.5
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Asafdda Tablo 3.2'de gosterildig gibi 15 dakika sonra, bir sulu amonyum persiilfat (APS)
baslatic1 soliisyonu eklenmis, ardindan 30.5 ve 2.34 g / dak 'de monomer emiilsiyonu 2
(ME2) ve bir sulu amonyum persiilfat ¢ozeltisi (birlikte beslemeli baslatict soliisyonu)
eklenmistir. Toplam besleme siiresi 90 dakika ve reaksiyon sicaklign 84-86 ° C arasinda
tutuldu. Bu beslemelerin tamamlanmasindan sonra, ME2'nin reaktére durulanmasi icin 35
g DI Su kullamild1 ve 10g DI Su, besleme baslaticiy reaktére yvikamak i¢in kullamldi. Bu
durulama reaktoriine beslenirken, lateks 75 ° C've sogutuldu. Lateks 50 ° Clye
sogutulurken 20 dakika boyunca latekse bir sulu tBHP ve SSF ¢ozeltisi beslenmistir. 50 °
C'de latekse bir biyosit (ROCIMA BT2S, Dow Chemical, Midland, MI) eklenmis ve
lateks izole edilmis ve analiz edilmistir:% 49.20 Kati madde; pH 7.06: 164 nm ortalama
parcacik bityiikliigii (BI90 art), 17 ppm MMA ve 44 ppm BA.

Emiilsiyon B: Bu emillsiyon, bir redoksun baglatilmas: islemi diginda, Emiilsiyon A icin
tarif edilen prosediire gére hazirlanmistir. Spesifik olarak, 5 L reaktorii 473 g deiyonize
(DI} su (-22 ° C) ile dolduruldu ve 1sit1ldi. 60 ° C'de, asagdaki Tablo 3.3'te gosterildigi
gibi monomer emiilsiyonu (ME), maksimum pompa hizinda, -15 dakika boyunca reaktore
aktarilmigtir. Daha sonra reaktore ilave 35 g DI su ile durulama eklendi. Reaktor sicaklhig
-38 ° (C'de, asafgadaki Tablo 3.3'te gosterildigi gibi lic ayn sulu sodyum siilfoksilat
formaldehit (SSF), tert-biitil-hidroperoksit (tBHP) ve demir siilfat heptahidrat ¢ozeltileri
reaktére sirayla eklenmistir. Bir ekzotermik reaksivon 2-3 dakika icinde gézlendi, 15
dakika boyunca tedricen 67 ° C'ye yiikseldi. Sicaklik zirveden sonra, rezidiiel monomeri
azaltmak icin reaktére tBHP ve SSFden olusan iki sulu kovalayici soliisyonu ilave edildi.
10 dakika sonra bir kistm alinmus ve 372 nm (BI90 artr), 222 ppm MMA ve pH 2.39 i¢in
analiz edilmistir. Elde edilen lateks, bir van seffaf ¢ozelti ve bir pH 11 ile hafif ¢dziiniir
kopolimer elde etmek icin sulu sodyum hidroksit ve kalsiyum hidroksit ¢ozeltisinden

olusan bir nétrlestirici ¢ézeltisi ile islendi.
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Tablo 3.2

ME2 Ad. (g) Baslatici Ag. {g) Esbesleme Baglaticis
Cozeltisi Ag. (9)
DI Su 5378 APS 2.23 APS 10.49
Mowiol ™ 4-88 ¢dzeltisi (agirhikea® 20) 2216 DISu 28 DISu 177
sodyum lauril silfat (SLS) 12.2
butil akrilat {BA) 1011.6
MMA 668.4
Tablo 3.3
ME Ag. (9)
DI Su 373
EDTA, tetrasodyum tuzu 0.045
sodyum dodesilbenzensilfonat (NaDBS) 117
Texanol 30.6
metil metakrilat (MMA) 240.0
alil metakrilat (ALMA) 4.66
buzul metakrilik asit (MAA) 61.2
metil 3-merkapto propionat (MMP) 10.69
Gozeltiler
Aktivatér Ad. (g) Baslatici Ag. (g) Promoter Ad. (g)
SSF 3.89 tBHP 6.02 FeS04-7 HO 0,023
DI Su 37 DI Su 28 DI Su 21
Takipgi Aktivatdr
SSF 0,44 tBHP 0,63
DI Su 15 DI Su 24
Notrlestirici (Adim 1) Ag. (G)
DI Su 151
sodyum hidroksit (agirlikga% 50 su) 36.9
kalsiyum hidroksit 17.5

Asagida Tablo 3.4'te gosterildigi gibi 15 dakika sonra, sulu bir amonyum persiilfat (APS)
baslatic1 soliisyonu eklenmis, ardindan sirasiyla monomer emiilsiyonu 2 (ME2), sulu
amonyum persiilfat ¢zeltisi (birlikte beslemeli baslatici soliisyon) ve sirasiyla 26.9, 1.42
ve 1.51 g/ dak'da bir sodyum metabisiilfit (NaMBS) ¢6zeltisi (birlikte beslemeli aktivator
soliisyonu) eklendi. Toplam besleme siiresi 90 dakika ve reaksiyon sicakhign 64-68 ° C
tutuldu. Bu beslemelerin tamamlanmasindan ME2'nin reaktore

arasinda sonra,

durulanmasi i¢in 35 g DI Su kullamldi ve reaktif baslaticiyr reaktdre yikamak icin 10 g
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DI Su kullamldi. Lateks 50 ° C'ye sogutulurken 20 dakika boyunca latekse bir sulu tBHP
ve SSF cozeltisi beslenmistir. 50 © C'de lateks'e 138.5 g sulu bir Mowiol 4-88 (agirlikca
% 20) cozeltisi eklenmistir.

Daha sonra latekse bir biyosit (ROCIMA BT2S, Dow Chemical, Midland, MI} ilave
edildi ve lateks izole edildi ve analiz edildi:% 49.91 Kati madde; pH 7.58: 141 nm
ortalama parcacik boyutu (BI90 art1), 21 ppm MMA ve 214 ppm BA.

Tablo 3.4
ME2 AQ. (g) Baslatici A§. {g) Esbesl. Baglaticisi Cozeltisi Ag. (g)
Dl su 593.2 APS 5.00 APS 7.71
Mowiol ™ 4-88 solisyonu (agirhkea% 20) 1385 DISu 28 Dlsu 120
sodyum lauril siilfat (SLS) 12.2
bitil akrilat {BA) 1011.6 Esbesl.aklivatér Cozeltisi  Ag. (g)
MMA 667.7 NaMBS 15.95

DI Su 120

Emiilsivon C: Bu emillsiyon, Emillsivon A i¢in tarif edilen prosediire uygun olarak
emiilsivon hazirlanmugtir, ancak BA miktarimn 834.5 ¢'ve disiirilmesi ve MMA
miktarinin 834.5 g'ye yiikseltilmesi. Lateks verileri:% 48.71 Kati maddeler; pH 7.22: 188
nrm ortalama parcacik boyutu (BI90 artr), 3 ppm MMA ve 8 ppm BA.

Emiilsivon D: Bu emiilsiyon, BA miktarinin 961.7 g'ye disiiriilmesi ve MMA miktarinin
718.5 g've arttrilmast haricinde, Emiilsiyon A icin tarif edilen prosediire gore
hazirlanmigtir. Lateks verileri:% 48.85 Kati maddeler; pH 7.12: 190 nm ortalama
parcacik boyutu {BI90 art1), 2 ppm MMA ve 11 ppm BA.

Emiilsiyon E: Bu emiilsiyon, Emiilsiyon B icin tarif edilen prosediire gore hazirlanmistir,
ancak ME2'nin % 801 beslendikten sonra ME2X'ye 8.5 g allil metakrilat (ALMA)
eklenmistir. Lateks verileri:% 48.66 Kati madde; pH 7.28: 134 nm ortalama parcacik
boyutu (BI90 art1), 2 ppm MMA ve 30 ppm BA.
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Emiilsiyvon F: Bu emiilsiyon,% 80 ME2nin beslendikten sonra ME2've 85 g
trimethoksisililpropil metakrilat (MATS) ilave edilmesi disinda, Emiilsiyon B ic¢in tarif
edilen prosediire gore hazirlanmustir. Lateks verileri:% 47.94 Kati madde; 156 nm

ortalama parcacik biiylikliigii (BI9O art1), 3 ppm MMA ve 138 ppm BA.

Emiilsivon G: MEI 'e ME2' nin agirlik oranimin 3: 17'den 1; 9'a degistirilmesi ve ME2'ye
8.5 g allil metakrilat (ALLMA) eklenmesi haricinde, ME2'nin % 80'i beslendikten sonra
Emiilsiyon B igin tarif edilen prosediire gére hazirlanmistir. Spesifik olarak, 5 L reaktérii
473 g DI su ile olmustur ve 60 ° C'ye isitilmustir. Sicak oldugunda Tablo 3.5'de
gosterildigi gibi bir monomer emiilsiyonu (ME1) maksimum pompa hizinda reaktire [115
dakika boyunca aktarilmistir. Daha sonra reaktére ilave 35 g DI su ile durulama eklendi.
Reaktor sicakligi 38 ° C'de, Tablo 3.5'de gosterildigi gibi ti¢ ayr1 sulu sodyum siilfoksilat
formaldehit (SSF), tert-biitilhidroperoksit (tBHP) ve demir siilfat heptahidrat c¢ozeltileri
reakttre sirayla eklenmistir. Bir ekzotermik reaksivon 2-3 dakika ig¢inde goézlendi, 15
dakika boyunca tedricen 67 ° C'ye yiikseldi. Sicaklik zirveden sonra, rezidiiel monomeri
azaltmak icin reaktdre tBHP ve SSF'den olusan iki sulu kovalayici soliisyonu ilave edildi.
10 dakika sonra bir kisim alinnmusg ve 372 nm (BI90 art1), 222 ppm MMA ve pH 2.39 icin
analiz edilmistir. Elde edilen lateks, bir yan seffaf ¢ozelti ve bir pH 11 ile hafif ¢6ziiniir
kopolimer elde etmek icin sulu sodyum hidroksit ve kalsiyum hidroksit codzeltisinden

olusan bir nétrlestirici ¢ozeltisi ile iglendi.

Tablo 3.5

ME Ag. (G)

Dlsu 244

EDTA, tetrasodyum tuzu 0.029

sodyum dodesilbenzensilfonat (NaDBS) 0.76

Texanol 20.0

metil metakrilat {MMA) 157.0

alil metakrilat (ALMA) 3.05

buzul metakrilik asit (MAA) 40.0

metil 3-merkapto propiyonat (MMP) 6.99
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Gozeltiler

Aktivatdr Ag. (g) Baslatici Ag. (g) Promoter AgJ. (9)
SSF 2.54 tBHP  3.94 FeS04-7 H,.O 0,023
DISu 26 DISu 20 DI Su 10

Takipgi Aktivatdr
SSF 0,44 tBHP 0,63
DISu 15 DISu 24

Nétrlegtirici (Asama 1) Ad. (g)
DI Su 104
sodyum hidroksit (agdirlikga% 50 su) 24.2
kalsiyum hidroksit 1.5

Asagida Tablo 3.6'da gosterildigi gibi 15 dakika sonra, sulu bir amonyum persiilfat (APS)
baslatic1 soliisyonu eklenmis, ardindan ardindan monomer emiilsiyonu 2 (MEZ2), sulu
amonyum persiilfat ¢ozeltisi (birlikte beslemeli baslatict soliisyon) ve sirasiyla 26.0, 1.33
ve 1.33 g/ dak'da bir sodyum metabisiilfit (NaMBS) ¢ozeltisinin (

birlikte beslemeli aktivator ¢ozeltisi) tedrici eklenmesi eklendi. Toplam besleme siiresi
90 dakika ve reaksiyon sicakhifn 64-68 ° C arasinda tutuldu. ME2'nin % 80'1 beslendikten
sonra, c¢alkalama ile ME2'ye 85 g ALMA eklenmistir. Bu beslemelerin
tamamlanmasindan sonra, ME2'nin reaktére durulanmast icin 35 g DI Su kullamildi ve
reaktif baslaticiyi reaktdre yikamak icin 10 g DI Su kullamldi. Lateks 50 ° C'ye
sogutulurken 20 dakika boyunca latekse bir sulu tBHP ve SST ¢ozeltisi beslenmistir. 50 °
(C'de lateks'e 138.5 g sulu bir Mowiol 4-88 (agirlikca % 20) c¢ozeltisi eklenmistir. Daha
sonra, latekse bir biyosit (ROCIMA BT2S, Dow Chemical, Midland, MI) ilave edildi ve
lateks izole edildi ve analiz edildi:% 48.63 Kati madde; pH 7.23: 174 nm ortalama
parcacik bityukligt (BI90 art1), Viskozite (LV # 3/60 rpm): 870 cps, 3 ppm MMA ve 344

ppm BA.

Tablo 3.6
ME2 Ag. (g) Baslatic1 AJ. (g) Esbesleme Baslaticis) Cozeltisi Ag. (g)
Dl su 5559 APS 3,00 APS 4,69
MOWIOL ™ 4-88 sollisyonu {adirlikga%% 20} 139.8 DISu 28 Dlsu 121
sodyum lauril siilfat (SLS) 12.9
bUtil akrilat {BA) 1030.7 Esbesl. Baslaticisi Cozeltisi Ag. (g)
MMA 6727 NaMBS 9.25

DI Su 121
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Emiilsiyvon H: Bu emillsiyon, Emiilsiyon G i¢in tarif edilen prosediir kullanmilarak
hazirlannmstir, ancak ME2'nin % 80'i1 beslendikten sonra ME2've 4.25 g ALMA
eklenmistir. Lateks verileri:% 48.44 Kati madde; 154 nm ortalama parcacik bityiikligi
(BI9) plus), 2 ppm MMA ve 42 ppm BA.

Emiilsivon I: Bu emilsivon, Emiilsiyon G icin tarif edilen prosediir kullamilarak
hazirlanmistir, ancak ME2'ye 8.5 g MATS eklenmigstir. Lateks verileri:% 48.44 Kau
madde; 154 nm ortalama parcacik bityiikliigii (BI90 art1), 2 ppm MMA ve 42 ppm BA,

Emiilsivon J: Bu emiilsiyon, Emiilsiyon A icin tarif edilen prosediir kullanilarak
hazirlanmistir, ancak MEI'in ME2'ye agirlik orami 15:85'den 10: 90'a degistirilmistir ve
ALMA, ME2'ye sokulmustur. Spesifik olarak, 5 L reaktorii 473 g deiyonize (DI) su ile
dolduruldu ve 85 ° C'ye 1situldi. Sicak oldugunda, asagidaki Tablo 3.7'de gosterildigi gibi
bir monomer emiilsiyonu (ME1), maksimum pompa hizinda, -15 dakika boyunca
reaktére aktanlmstir. Daha sonra reaktore ilave 35 g DI su ile durulama eklendi. Reaktér
sicakhigr 50 © C'de, Tablo 3.7'de gosterildigi gibi ii¢ ayrt sulu sodyum siilfoksilat
formaldehit (SSF), tert-biitilhidroperoksit (tBHP) ve demir siilfat heptahidrat ¢ézeltileri
reaktére sirayla eklenmistir. Bir ekzotermik reaksivon 2-3 dakika i¢inde, 15 dakikada 90
° C'ye kadar kademeli olarak artmistir. Sicaklik zirveden sonra, rezidiel monomeri
azaltmak i¢in reaktére tBHP ve SSFden olusan iki sulu kovalayici soliisyonu ilave edildi.
10y dakika sonra bir kisim alinmis ve 372 nm (BI9¢ art1), 222 ppm MMA ve pH 2.39 i¢in
analiz edilmistir. Elde edilen lateks, bir van seffaf ¢tzelti ve bir pH 11 ile hafif ¢dziiniir
kopolimer elde etmek icin sulu sodyum hidroksit ve kalsiyum hidroksit ¢ozeltisinden

olusan bir nétralize edici ¢ozelti ile islendi.

Asagida Tablo 3.8'de gosterildigi gibi 15 dakika sonra, sulu amonyum persiilfat (APS)
baglatic1 solilsyonu eklenmis, ardindan sirastyla monomer emiilsiyonu 2 (MEZ2), sulu
amonyum persiilfat ¢ozeltisi (birlikte beslemeli baglatici soliisyon) ve 26.0, 1.33 ve 1.33 ¢
/ dak'da bir sodyum metabisiilfit (NaMBS) ¢ozeltisi (birlikte beslemeli aktivator ¢ozeltisi)
eklendi. Toplam besleme siiresi 90 dakika ve reaksiyon sicaklifi 64-68 ° C arasinda

tutuldu. ME2'nin% 401 beslendikien sonra, calkalama ile ME2'ye 4.25 g ALMA
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eklenmistir. Bu beslemelerin tamamlanmasindan sonra, ME2'nin reaktére durulanmasi
icin 35 g DI Su kullanildi ve reaktif baslaticiy1 reakttre yikamak icin 10 g DI Su
kullanildi. Lateks 50 ° C'ye sogutulurken 20 dakika boyunca latekse bir sulu tBHP ve
SSF cozeltisi beslenmistir. 50 © C'de lateks'e 138.5 g sulu bir Mowiol 4-88 (agirlikca%
20) cozeltisi eklenmistir. Daha sonra, latekse bir biyosit (ROCIMA BT2S, Dow
Chemical, Midland, MI) ilave edildi ve lateks izole edildi ve analiz edildi:% 49.66 Kan
madde; pH 7.20: 154 nm ortalama pargacik boyuntu (BI90 art1), 2 ppm MMA ve 15 ppm
BA.

Tablo 3.7
ME Ag. (g)
Dl su 244
EDTA, tetrasodyum tuzu 0.029
sodyum dodesilbenzensiilfonat (NaDBS) 0.76
Texanal 200
metil metakrilat {(MMA} 157.0
alil metakrilat (ALMA) 3.05
buzul metakrilik asit (MAA) 40.0
metil 3-merkapto propiyonat (MMP) 6.99
Gozeltiler
Aktivatdr Ag. (g) Baslatic Ag. (g) Promoter Ad. (G)
SSF 2.54 tBHP 3.94 FeS04-7 H20 0,023
DISu 286 DI Su 20 DI Su 10
Takipgi Aktivatér
SSF 0,44 1BHP 0,63
DISu 15 DI Su 24
Notrlestirici (Asama 1) Ag. (g)
DI Su 104
sodyum hidroksit {(agirhk¢a% 50 su) 24.2
kalsiyum hidroksit 11.5
Tablo 3.8
ME2 Ad. (g) Baglatic AJ. (g) Esbesl.Baglaticisi Cozeltisi  Ad. (g)
Dl su 5559 APS 2,23 APS 10.49
MOWIOL ™ 4-88 solisyonu {adirikga®% 20) 139.8 DISu 28 Dl su 169
sodyum lauril siilfat (SLS) 12.9
batil akrilat {BA) 1030.7
MMA 672.7
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Emiilsivon K: Bu emiilsiyon, Emiilsiyon A icin tarif edilen prosediir kullamlarak
hazirlanmigtir, ancak ME2'nin % 801 beslendikten sonra ME2'yve 8.5 g MATS
eklenmistir. Lateks verileri:% 48.16 Kati1 madde; 172 nm ortalama parcacik biiyviikliigii
(BI90 plus), 9 ppm MMA ve 11 ppm BA.

Emiilsivon L.: Bu emiilsiyon, Emiilsiyon B i¢in tarif edilen prosediir kullamlarak
hazirlanmistir, ancak ME2 bilegimi, asagida Tablo 3.9'da sunulana degistirilmistir. Lateks
verileri:% 48.44 Katt madde; 159 nm ortalama parcacik biiyiikliigii (BI90 plus), pH: 7.32,
4 ppm MMA ve 17 ppm BA.

Tablo 3.9

ME2 Ag. (g)

DI su 555.9
MOWIOL ™ 4-88 sollsyonu {adirlikga® 20) 139.8

sodyum lauril silfat (SLS) 12.9

btil akrilat {BA) 927.3

MMA 600.8
Asetoasetil Etil Metakrilat {AAEM) 166.9

Emiilsiyon M: Bu emiilsiyon,% 80 ME2 beslendikten sonra ME2'ye 4.25 ¢ biitilen glikol
dimetakrilat (BGDMA) ilave edilmesi disinda, Emiilsivon B icin tarif edilen prosediire
gore hazirlanmigtir. Lateks verileri:% 46.97 Kati madde; 106 nm ortalama parcacik

bityiikliigi (BI9O art1), pH: 7.38, 36 ppm MMA ve 81 ppm BA.

Emiilsivon N: Bu emiilsiyvon, bir Monomer emiilsivon tohumu (ME2 tohumu) ve
nDDM'nin ME2'ye ilave edilmesi haricinde Emiilsiyon G i¢in tarif edilen prosediire gore
hazirlannustir,  Spesifik olarak, reaktér 481 g deiyonize (DI} su (22 ° C) ile
doldurulmustur. Asagidaki Tablo 3.10'da gosterildi@i gibi bir monomer emiilsiyonu
(ME1) maksimum pompa hizinda -135 dakika boyunca reakttre aktarilmistir, Daha sonra
reaktore ilave 35 g DI su ile durulama eklendi. 22 © C'de reaktor sicakhign ile, Tablo
3.10'da gosterildigi gibi ¢ ayn sulu sodynm siilfoksilat formaldehit (SSF), tert-

biitilhidropercksit (tBHP) ve demir siilfat heptahidrat c¢ézeltileri, reaktore sirayla
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eklenmistir. Bir ekzotermik reaksiyon 2-3 dakika icinde gézlenmistir, kademeli olarak 18
dakika boyunca 51 ° C'ye yiikselmistir. Sicaklik zirveden sonra, rezidilel monomeri
azaltmak icin reaktore tBHP ve SSFden olusan iki sulu kovalayici soliisyonu ilave edildi.
10 dakika sonra, sonuctaki lateks, bir yari-trans-parent soliisyonu ve bir pH 11 ile hafif
¢cOziiniir kopolimer elde etmek icin sulu sodyum hidroksit ve kalsiyum hidroksit

¢6zeltisinden olusan bir notrlestirici soliisyonu ile muamele edilmistir.

15 dakika sonra ve reakttr sicakhigi 51 ° C'de, agagidaki Tablo 3.11'de gosterildigi gibi
232 g ME2, reaktbre eklenmis, ardindan sulu bir amonyum persiilfat (APS) baslatict
¢Ozeltisi ve bir sulu sodyum metabisiilfit ¢ozeltisi (NaMBS) eklenmigtir. 2 dakika icinde
bir ekzotermik reaksiyon gozlemlendi, 9 dakika icinde tedricen 68 ° C'ye yiikseldi.
Sicaklik zirveden sonra, monomer emiilsiyonu 2 (ME2), bir sulu amonyum persiilfat
¢ozeltisi (birlikte beslemeli baslatict soliisyon) ve bir sodyum metabisiilfit (NaMBS)
cozeltisinin (birlikte beslemeli aktivatér ¢ozeltisi) kademeli olarak eklenmesi, sirasiyla
12.8, 0.74 ve 0.744 g / dak olarak ilave edildi. 10 dakika sonra, bu yemler sirasiyla 19.2,
1.11 ve 1.11 g/ dk'ya ¢ikanldi. 10 dakika sonra, bu yemler sirasiyla 25.6, 1.48 ve 1.48 g/
dakikaya cikanldi. Toplam besleme siiresi 90 dakika ve reaksiyon sicakhif 64-68 ° C
arasinda tutuldu. ME2'nin % 80'1 beslendikten sonra, ¢calkalama ile ME2've 8.5 g ALMA
eklenmistir. Bu beslemelerin tamamlanmasindan sonra, ME2'nin reaktére durulanmasi
icin 35 g DI Su kullamildi ve reaktif baslaticiy1 reaktore yikamak icin 10 g DI Su
kullamldi. Lateks 50 © C'ye sogutulurken 20 dakika boyunca latekse bir sulu tBHP ve
SSF cozeltisi beslenmistir. 50 ° C'de lateks'e 138.5 g sulu bir Mowiol 4-88 (agirlike a%
20) c¢ozelusi eklenmistir. Daha sonra bir biyosit (ROCIMA BT?2S, Dow Chemical,
Midland, MI) latekse eklendi ve lateks izole edildi ve analiz edildi:% 48.25 Kat1 madde;
pH 7.14: 280 nm ortalama pargacik biiyiikligii (BI90 plus), Viskozite (LLV # 3/60 rpm):
184 cps, 6 ppm MMA ve 59 ppm BA.
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Tablo 3.10

ME Ad. (g)
Dl su 244

EDTA, tetrasodyum tuzu 0.029

sodyum dodesilbenzensiilfonat (NaDBS) 0.76

Texanal 20.0

metil metakrilat (MMA} 157.0

alil metakrilat (ALMA) 3.05

buzul metakrilik asit (MAA) 40.0

metil 3-merkapto propiyonat (MMP) 6.99

Cozeltiler

Aktivatdr Ag. (g) Baslatict Ag. (g) Promoter Ag. (g)
S5SF 2.54 tBHP  3.94 FeS0;-7 H.0O 0,023
DISu 26 DISu 20 DI Su 10

Takipgi Aktivatdr
SSF 0,44 tBHP 0,63

DISu 15 DISu 24
Notrlestirici (Asama 1) Ad. (@)
DI Su 104
sodyum hidroksit (agirlikga% 50 su) 24.2
kalsiyum hidroksit 11.5
Tablo 3.11

ME2 Ag. (g) Baslatici Ag. (g) Esbesleme Baglaticis) Gozeltisi Ag. (g)
Dl su 5559 APS 3,00 APS 4,69
MOWIOL ™ 4-88 sollisyonu {adirlikga% 20) 139.8 DISu 28 tBHP 0.15
sodyum lauril silfat (SLS) 12.9 Dl su 121
butil akrilat {BA) 1030.7
MMA 672.7 Aktivatdr ~ Ag. (g) Esbesl. Baslaticisi Cozimi Ag. (9)
n-Dodesil Merkaptan (nDDM) 2.91 NaMBS 2.16 NaMBS 7.09

DISu 28 DI Su 121

Emiilsiyon O: Bu emiilsiyon, Emiilsiyon N icin tarif edilen prosediire gore hazirlanmistir,
ancak ME2'ye 1.45 g n-dotgoplsdesil merkaptan (nDDM) eklenmistir. Lateks verileri:%
47.66 Kati madde; 250 nm ortalama parcacik biiyiikligii (BI90 art1), pH: 7.20, 13 ppm
MMA ve 145 ppm BA.

29



10

15

20

25

30

Emiilsiyon P: Bu emiilsiyon, 4.25 g 3-metil merkaptopropionat (MMP) ME2'ye ilave
edilmesi haricinde Emiilsivon N ig¢in tarif edilen prosediire gore hazirlanmigtir. Lateks
verileri:% 47,57 Kati madde; 228 nm ortalama parcacik biiyiikligii (BI9O art1), pH: 7.26,
Viskozite (LV # 3/60 rpm): 74 cps, 6 ppm MMA ve 37 ppm BA.

Emiilsiyon Q: Bu emiilsiyon, Emiilsiyon N icin tarif edilen prosediire gbre hazirlanmistir,
ancak ME2've 1.73 g 3-metil merkaptopropionat (MMP) eklenmistir. Lateks verileri:%
47.96 Kat1 madde; 181 nm ortalama parcacik buyiikligi (BI90 art1), pH: 7.23, Viskozite
(LV # 3/60 rpm): 102 cps, 4 ppm MMA ve 223 ppm BA.

Emiilsivon R: Bu emiilsiyon, Emiilsiyon N i¢in tarif edilen prosediire gbre hazirlanmistr,
ancak ME2'ye 0.86 g 3-metil merkaptopropionat (MMP) eklenmistir. Lateks verileri %
4790 Kati madde; 136 nm ortalama parcacik biyiikliigii (BI90 art1), pH: 7.17, 3 ppm
MMA ve 300 ppm BA.

Ornek 2 - RDP Sentezi: Tablo 5'te gosterildigi gibi, Ornek I'de belirtilen 1000 g
Emiilsiyonlar, ortam sicakhiginda 6.25 g kalsiyum hidroksit ve 365 g sudan olusan bir
sulu bulamagla muamele edildi. pH 10-11'e ve [135% kat icerigine sahip bir emiilsiyon
verir. Notralize edilmis emiilsiyon daha sonra bir piiskiirtiicii (Spray Systems Company,
Wheaton, IL'den SU4 veya SUS5) ile donatilnug bir Niro Atomizer Sprey Kurutucu (GEA
Process Engineering Inc., Columbia, MD) laboratuvar sprey kurutucusu kullanilarak
puiskiirtiilerek kurutulmustur. Sprey kurutma kosullari, belirsizlik toleranslar ile asagida

Tablo 4'te gosterildigi gibi olmustur.

Tablo 4

Sicaklik Hava Akist Lateks Onleyici yardimer madde
Giris Cikis
170-180° C 62-64°C 6.0-62kg/cm’ 55-65g/dak  2.9-3.5g/dak
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Belirtilmemisse, tim &drnekler icin bir dnleyici yardimcr madde kullamlmarmstir. Elde
edilen serbest akish tozlar, asagida tarif edildigi gibi tortulagmaya karst direnc ile geri

kazanim ve yeniden dagitilabilirlik acisindan degerlendirilmigtir.

Kurutulmug, vani, kuru polimer, topaklanma Onleyici yardimc1 madde ve koruyucu
kurutulmus kolloid spreyin toplam miktarina karsi elde edilen tozun geri kazanimi: Kabul
edilebilir bir geri kazanim, kurutucuya konan katilarin toplam agirh@nin% 75't kadar ve

tercihen agirhkca % 90'dir, ancak siklon verimine baghdir.

Sedimantasyon: Her bir toz, standart bir paslanmaz celik ajitatorii ve 400 rpm'de bir IKW

RW 20 Dijital Kanstirict (Wilmington, NC) kullanilarak 30 dakika esit miktarda toz ve
su karistirilarak yeniden dagildi. Elde edilen macun ilave su ile, 1 kisim 90 parca suyla
yikandi. Sedimantasyon, 24 saat sonra optimum ¢ékeltmenin 0 mm oldugu sulu yeniden
dagilmig tozun dispersiyon stabilitesini gosterir. Sedimantasyon analizi, mm'ye karst mm
cinsinden bir mezuniyet iceren diiz bir taban ile modifiye edilmis 0.5 mm caph bir X 45
cm uzunlugunda burette kullanilarak gerceklestirilmigtir. Tercihen sedimantasyon

seviyesi < 30 mm'dir.

Tablo 5
Omek  Emiilsiyon Geri kazaum ag.% H,O % ACA Sedimantasyon
2.1 A % 90.0 % 2.38 Yok 10 mm 24 saat
22 B % 86,3 % 2,55 % 13.76 Kaolin 10 mm 24 sa.
2.3 C %0 82 %2,09 Yok 10 mm 24 sa.
2,4 D % 96,0 % 2,39 Yok 15 mm 24 saat
25 E %T7,1 % 2,58 Yok 21 mm 24 saat
2,6 F % 96,0 % 2,39 Yok 15 mm 24 sa.
27 G % 85.7 % 1,74 % 13,21 Kaolin 12 mm 24 sa.
2.8 H F084.1 % 1.82 % 12.80 Kaclin 9 mm 24 sa.
2.9 I % 81,8 % 2,10 Yok 40 mm 24 saat
2.10 J %86.8 % 1.69 % 15.26 Kaolin 23 mm 24 sa.
2.11 K % 84,6 % 2,30 Yok 22 mm 24 saat
2,12 L % 92.5 % 2,31 Yok 9 mm 24 saat yok
2.13 M % 79.80 % 2.25 Yok 34 mm 24 sa.
2.14 N % 83.0 % 238 % 17.04 Kaolin 22 mm 24 saat
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215 8] % 83,4 % 2,01 % 12,49 25 mm 24 saat
2.16 P % 84.7 % 224 % 15.34 Kaclin 15 mm 24 saat
2.17 Q % 84,9 % 2,21 % 15,11 Kaclin 9 mm 24 sa.
2.18 R % 83,5 % 2,15 % 16,58 Kaolin 15 mm 24 sa.

Ornek 3 - Dis Bitiris Bilesimleri: Bu bulusun dokulu boya bilesimlerinin performansi,
Ornek 2'nin ¢esitli RDPlerini iceren EIFS sonkat formiilasyonlar: karsilastirilarak
degerlendirilmistir. Her bir test i¢in, % 70 veya % 79'luk bir PVC'ye sahip olan bir
pigmentli ve dokulu boya bilesimi hazirlandi ve analiz edildi. Her bir formiilasyonun

ozellikleri asagidaki gibiydi:

% 70 PVC EIFS Formiilasyonu: Kuru bir karisim formiilasyonu asagidakieleri icererek
hazirlannmustir; % 7.98 wt # 15 Kum; 64.83 wt.% 50-30 Kum; 5.57 agirhik % Duramite ™
(Imerys Pigments, Inc.'den temin edilebilen bir CaCO3 genisletici); % 0.60 Metolat™ p

871 (Munzing, Almanya'dan temin edilebilen bir neopentil glikol bazlh anti-shrink
birlestirici); agirhkca % 0.12 Walocel ™ 40000 PFV (Dow Chemical Company'den
temin edilebilen bir seliiloz eter koyulastirici); agirlikca % 0.30 Attagel S0TM (BASFden
elde edilen kil bazli bir reoloji degistirici); agirlik¢ca % 0.08, # 6 Denye Mini Elyaf, 10,6
cm kesim; Agirlikca% 0.30 Agitan® P 804 (Munzing, Almanya'dan temin edilebilen bir
kopiik giderici); afirhkca % 4.49 Ti-Pure ™ R-960 (Dupont'dan temin edilebilen bir
TiO2 pigmenti); agirlikca % 0.30 Bioban ™ IBPC 100 (Dow Chemical Company'den
temin edilebilen bir biyosit); agirlikca % 0.20 potasyum tripolifosfat dispersan ve
agirthkca % 15.24 bir RDP yukarnida tamimlanmistir. Dokulu boya bilesimleri, kuru
karisim formilasyonlarinin, formiilasyonun kuru agirhigina bagh olarak, kullamim
noktasinda su ilave olarak % 19.84 ilave edilerek hazirlandi.

% 79 PVC EIFS Formiilasyonu: Her testte agagidakileri iceren bir kuru karisim

formiilasyonu hazirlanmustir; agirlikca % 7.52 # 15 Kum; 61.07 wt.% 50-30 Kum; %
15.36 Duramite ™ (Imerys Pigment, Inc.'den temin edilebilen bir CaCO3 genisletici); %
0.56 Metolat ™ P 871 (Munzing, Almanya'dan temin edilebilen bir neopentil glikol esash
anti-shrink birlestirici); agirhkea % 0.11 WALOCEL™ 40000 PFV (Dow Chemical
Company'den temin edilebilen bir seliiloz eter koyulastiricist); agirhikca % (.28 Attagel
S0TM (BASF'den temin edilebilen kil bazli bir reoloji degistirici); agirlikca % 0.08, # 6
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Denye Mini Elyaf, LI0,6 cm kesim; % 0.28 Agitan ™ P 804 (Munzing, Almanya'dan
temin edilebilen bir kdpiik giderici); agirlikca % 4.23 Ti-Pure ™ R-960 (Dupont'tan
temin edilebilen bir TiO2 pigmenti); agirhikca % 0.28 Bioban ™ IBPC 100 (Dow
Chemical Company'den temin edilebilen bir biyesit); % 0.19 potasyum tripolifosfat
dispersan ve agirhik olarak % 10.04 bir RDP yukanda tamimlanmistir. Dokulu boya
bilesimleri, kuru karisum formiilasyonlarimin, formiilasyonun kuru agirhifina bagh olarak,

kullanim noktasinda su ilave olarak % 18.69 ilave edilmesi suretiyle hazirlandi.
Kir Toplama Direnci (DPUR), yani hava ve su ile tasinan kirlerin birikmesine bagh
olarak dig yuizey batiris bilesimlerinin yiizey bozulmasina direnme kabiliyeti ve dokulu

boya formiilasyonlarnin 1slak asinma direnci asagidaki gibi analiz edilmistir:

Kir Toplama Direnci (DPUR): Bu test, laboratuar ortaminda simiile edilmis kirlere maruz

kaldiktan sonra, bitiris kompozisyonunun yiizeyine kalict olarak gdomiilmiis olan kir
miktarim 6lcer. Yukanda tarif edilen dokulu ve pigmentli bitiris bilesimleri, bir
aliminyum panel iizerine 0.16 cm kalinlifa kadar mala ile siiriilmiis ve yedi giin boyunca
25 ° Clik sabit bir sicaklikta ve % 507lik bir bagil nemde kurumaya birakilmistir.
Kaplanmis panel daha sonra 24 saat boyunca bir QUYV iinitesinde (Q-Panel Company)
ultraviyole radyasyona maruz birakilir, daha sonra paneller ¢ikarilir ve DPUR testine

baglamadan once 4 saat 25 © C'de ve % 50 bagil nemde dengelenmeye birakilir.

Baska bir demir oksit ¢ikarilana kadar az miktarda sivi el sabunu ve naylon ovma fircasi
ile hafifce ve esit bir gekilde ovalayarak, kaplanmis panellerin yiizeyine fir¢a ile bir
kirmzi demir oksit bulamag (MAPICO™ 422) uvgulanmig, daha sonra 25 ° C'de {i¢ saat
kurumaya birakilmug ve % 50 nispi nemin ardindan paneller akan suyun altinda
yikanmustir. Yikanan kaplanmis panel daha sonra en az iki saat 25 © C sicaklhikta ve % 50
nispi nemde kurutulur. Yikanmis kaplanmis panelin ve test edilmemis temiz bir béliimiin
yansima degerleri bir Gardner Colorgard II 45 ° Reflectometre (Gardner / Neotec
Instrument Division, Silver Springs, MD) kullamlarak 8lc¢tilmiistiir. Her bir numune icin
ic temiz ve ii¢ kirli okuma alindi, iic degerden olusan ortalamalar, asagidaki formiil

kullanilarak elde edilen % yansima oranini hesaplamak i¢in kullamldi:
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Tutulan yansima % = 100 x islenmis numunenin yansimasi / islenmemis numunenin yansimasi

Tutulan yansima yiizdesi, dis kaplama terkiplerinin DPUR'unu karakterize etmek icin, kir

toplamaya karst 1yi diren¢ gdsteren yiiksek bir yansitma orani ile kullanilir.

Islak Asinma Direnci: Bu test, bir dis bitirme bilesiminin asinmaya karsi direncini 8lcer

ve erken film olusumunun bir dl¢iisiinii saglar. Yukarida tarif edilen dokulu ve pigmentli
bitiris bilesimleri, 16,5 ¢m x 43,2 cm'lik bir vinil tabaka iizerine 1.6 mm'lik 1slak bir
kalinhga kadar bir mala ile uygulanmistir. Kaplanmis tabaka 75 ° C'de ve 24 saat
boyunca % 50 bagil nemde veya 40 ° C'de ve % 70 bagil nemde 48 saat siire ile
kurutuldu. Bundan sonra, numunenin kenarlanndan kaplamasiz vinil kesilir. Kaplanms
tabakanin (A) baglangi¢ agirligi, kaplanmg taraf yukar bakacak sekilde bir aliminyum
plaka lizerine bantlanmadan ve bir aginma test cihazina (Gardener Diiz Cizgi Test Cihazi,
Bahgivan Labs) yerlestirilmeden Once en yakin 0.01 gram’a kaydedilir. ASTM Metodu
D2486 ve D3450ye (SC-2, Lenexa Company) ve 10 g suya uygun olarak imal edilen bir
asindirict ovma ortamimin 10 g1, kaplanmis tabakaya temas eden kullar ile asinma test
cihazimin iizerine monte edilen bir fircanin iizerine esit olarak uygulanmistir. Asinma test
cihazi baglatuldi ve 2000 dongii tamamlandi, her 500 dbngli tamamlandiktan sonra
fircanin icine 10g SC-2 ve 10g su tekrar uygulandi. Kaplanmis tabaka testten ¢ikarilir ve
1lik su altinda durulanir. Kaplanmis tabaka en az 12 saat 25 ° C'de ve% 50 bagil nemde
kurutulur. Kurutulduktan sonra, kaplanmis tabakanin (B) nihai agirligt en yakin 0.01
gram olarak belirlenir. Son olarak, kaplanmanms vinil tabaka, kaplanms tabaka ile aym
boyutlarda ii¢ test seridine kesilir ve en yakin 0.0l gram agrhiga kadar tartilir.
Kaplanmanus vinil tabakanmn (C) agirlif, bu ii¢ agirh@in ortalamasidir, Kaplanan
tabakalarin agirlik kaybr %, asagidaki denkleme gore belirlenir, kaydedilen sonug, en az

iki test edilen numunenin ortalamasini temsil eder:

Agirhk Kayh % = 100 x A-B/ A-C

Diistik bir % agirlik kaybi degeri, 1yi bir baslangic filmi olusumu ve asinmaya karst

direnci gisterir.
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Cesitli dokulu boya formiilasyonlarimin DPUR sonuclari, asagidaki Tablo 6.1 ila 6.5'de
ozetlenmistir. Tablo 6.1 ve 6.2'de, ¢ok islevli bir monomer veya zincir transfer maddesi

kullanmilmanustir.

Tablo 6.1: Redox ve Termal baslatilan polimerizasyon

KATKI SONRASI DPUR
RDP (Ornek no.) Tg (¢ C) ASR: cekirdek Pclimerizasyon sireci Anti-caking maddesi % 70 PVC % 79 PVC
2.1 6 1585 Termal Kaolin 701 80.2
22 6 15:85 Redox Kaolin 59,9 88,3
Tablo 6.2: Kopolimer i¢ agamas1 Tg

KATKI SONRASI DPUR
RDP (Ornek no.) Tg {° C) ASR: gekirdek Pelimerizasyon slreci Anti-caking maddesi % 70 PVC % 79 PVC
2.3 17 15:85 Termal Kaolin 70.8
2.4 11 15:85 Termal Kaolin 73.8
21 6 15:85 Termal Kaolin 701 80.2
2.2 8 15:85 Redox Kaolin 59.9 88.3

Tablo 6.3: Kopolimer i¢ asamasindaki ¢ok islevli Monomerler
KATKI SONRASI

Anti-caking maddesi

DPUR

ROP (Or.ne.) Tg (> C) ASR: gekirdek Polimerizasyon siireci gok islevli Menomer zincir transfer ajam % 70 PVC % 79 PVC

22 6 15:85 Redox - - Kaolin 58.9 88.3
25 3] 15:85 Redox 0.5a3.% ALMA - Kaolin 571
286 € 15:85 Redox 0.5a9 % MATS - Kaolin 63.9 59.3

Tablo 6.4: Alkali-¢6ziiniir reginenin dig katinin i¢ etabit (lar) a oram

KATKI SONRASI DPUR
Anti-caking maddesi % 70 PVC % 79 PVC
0.5a9.% ALMA - Kaolin 571

0.5ag.% ALMA - Kaolin 80.1 59.2

RDP {Or.no.) Tg (° C) ASR: ¢ekirdek Polimerizasyon sireci ok iglevli Monomer zincir transter ajani
25 6 15:85 Redox
27 8 10:90 Redox

Tablo 6.5: Ek hidrofobik madde

KATKI SONRASI DPUR
RDP {Or.no.) Tg (* C) ASR: gekirdek Polimerizasyon siireci ok iglevli Monomer veya zincir transfer ajani Anti-caking maddesi Hidrolobik ajan %70PVC %79 PYC
23 17 15:85 Termal - Kaolin - 70.1
23 17 15:85 Termal - Kaolin Bag.% SLS* 732
*3LS= sodyum lauril siilfat

Mevcut bulugun dokulu boyalarmin DPUR performansini gelencksel dokulu boyalarla

karsilastirmak icin RDP'leri, yani DRYCRYL™ DP-2903 tozunu (% 107luk bir akrilik
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RDPmin bir Tg +10° Cye sahip olan benzer boya formiilasyonlan hazirlanmastir),
ELOTEX™WRS8600 tozu (7,674,860 sayih ABD Patentinde anlatilan ybdnteme gore
yapilmug bir butil akrilat / metil metakrilat kopolimer (Tg -2 ° C) cekirdek agamasi ve bir
katyonik amin iceren kabuk asamasmi iceren ¢ok asamali bir katyonik polimer) ve
ELOTEX™ FLEX8300 tozu (ABD Patenti No. 7,674,860'da tarif edilen isleme gore
iretilmis bir akrilik (ko) polimer RDP) veya bir polipropilen, ornegin EIFS sonkat
formiilasyonlarinda iyi DPUR performans: sagladig bilinen RHOPLEX ™ EI-2000
polimer (bir Tg + 12 °C olan bir % 100 akrilik polimer lateks)'den olugan benzer boya
formiilasyonlar: hazirlanmigtir. Bu karsilagtirmali dokulu boya formiilasyonlarinin DPUR

sonuglari, asagidaki Tablo 6.6'da tzetlenmistir:

Tablo 6.6: Karsilastirmali DPUR sonuglar

DPUR
Polimer baglayici % 70PVC % 79 PVC
El-2000" polimer 37.8 34.6
DP-2903' tozu 51.8 52.0
WRS500° tozu 33.6 35,4
FLEX8300 ™ *foz 38.3 44.4

' Dow Chemical Company, Midland, MI; EI-2000 tozu, hir Tg + 12 * C'ye sahip olan bir%: 100 akrilik polimer lateksidir;

DP-2903 tozu, Tg + 10 ° C olan%: 100 akrilik bir RDP'dir.

2AkzoNobel Functional Chemicals Elotex AG. Isvigre. WR 8600, asagidakileri iceren gok kademeli bir katyonik polimerdir.

biitil akrilat / metil metakrilat kopolimer {Tg -2 = C) ¢ekirdek agamasi ve ABD Patenti No. 7,674,860'ta agiklanan isleme goére yapilan kabuk asamasi
iceren bir katyonik amin; FLEX8300 ™, ABD Patenti No. 7,674,860'ta tarif edilen igleme gdre Uretilen bir akrilik (ko) polimer RDPdir

Bu sonuglar, bu bulusun dokulu boya formiilasyonlarinin, akrilik lateks tozlart ve tercihen
akrilik lateksleri iceren geleneksel dokulu boya formiilasyonlarina kiyasla gelistirilmis

DPUR sagladifim gostermektedir.

% 70 PVC dokulu boya formiilasyonlarinin Islak Asinma Direnci ("SCRUB") sonuglari
asagidaki Tablo 7.1 ila 7.5'te 6zetlenmistir:
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Tablo 7.1: Redox ve Termal baslatilan polimerizasyon

{Bu Orneklerin higbirinde Zincir transfer ajan kullaniimad))
KATKI SONRASI SCRUB

RDP Tg(° Gy ASR: Polimerizasyon Cok islevli Onleyici 70°C/  40°C/
{Ornek no) cekirdek sireci mongmer ajan % B0 RH % 70RH
2.1 6 15:85 Termal - Kaolin 7.96 10.93
+2.13 +-1.55
2.2 6 15:85 Redox - Kaolin 4.72+-0.8 8.23
7 +-1.93

Tablo 7.2: Alkali-¢6ziiniir recinenin dis katinin i¢ etabi (lar) a oram

{Bu Orneklerin higbirinde Zincir transfer ajarm kullaniimad)
KATKI SONRASI SCRUB

RDP Tg(® C) ASR: Polimerizasyon Cok iglevli Onleyici 70°C/ 40°C/
(Ornek no) cekirdek sireci mongmer ajan % 50 RH % 70RH
2.2 6 15:85 Redox - Kaolin 4.72+-0.87 8.23
+-1.93
2.8 6 10:90 Redox 0.25a§.% ALMA Kaolin 3.18+-0.197.08
+-2.35
29 6 10:90  Redox - Kaolin 6.23
+0.69

Tablo 7.3: Kopolimer i¢ agamasindaki ¢ok islevli Monomerler

{Bu Grneklerin higbirinde Zincir transfer ajani kullaniimadi)

KATKI SONRASI SCRUB
RDP Tg(® C) ASR: Polimerizasyon GCok iglevli Onleyici 70°C/ 40°C/
{Ornek noj cekirdek sireci monomer ajan % 50 RH % 70 RH
22 6 15:85 Redox - Kaolin 4.72 8.23
+0.87 +-1.93
25 6 15:85 Redox 0.5a8.9% ALMA  Kaolin 4.29
+-0.18
2.6 6 15:85 Redox 0.5a9.% MATS  Kaolin  3.71
+0.16
2.1 6 15:85 Termal - Kaolin 7.96 10.93
+2.13  +155
2.1 6 15:85 Termal 0.5a9.% MATS Kaolin 3.96
+-0.34
2.2" 6 15:85 Redox - Kaolin *15.49
+-2.16
212 6 15:85 Redox 10ag§.% AAEM  Kaolin 9.63
+-0.67
213 6 15:85 Redox 0.5% BGDMA  Kaolin 11.85
+-1.26
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Tablo 7.4: Zincir transfer araci
KATKI SONRASI SCRUB

RDP Tg(° C) ASR: Polimerizasyon Cok islevli Zincir  Onleyici 70°C/ 40°C/
(Ornek no) cekirdek sdreci monomer transfer ajan % 50 RH % 70 RH
ajani
K : e F=o .. 0.5ag.%ALMA
P : N F= . 0.5a8.%ALMA ~o-ad.
Do
P : N F- . 0.5ad.%ALMA B
ag. -
L
N Feo . 0.5a8.%ALMA | | I:ag.
L : Ll Feo 0.5ag.%ALMA Colag.
TR
L F- . 0.524.%ALMA © o -ad. . Sl

Tablo 7.5: Ek hidrofobik madde

(Bu Omeklerin hicbirinde Zincir transfer ajani kullaniimadi)

KATKI SONRASI SCRUB
RDP Tg(° C) ASR: Palimerizasyon Cok islevli Onleyici Hidrofobik 70°C/40°C/
(Ornek no) cekirdek slireci monomer ajan ajan %50RH %70RH
z ; T Foo 0.5a§.%ALMA
C B Co F=-. .- 0.5ad.%ALMA - © . -ag. ook
L
L . L Tormal 0.5a8.%ALMA o e
oo : T Termal 0.5ag.%ALMA L cag. ot o-ll
I ' R Termal - Sl
- ) Termal S | Jaf ot | 2 Tl

“SLS= sodyum lauril stlfat

Bu bulusun dokulu boyalarinin Islak Asinma Diren¢ performansimin, geleneksel dokulu
boyalarla karsilastirilmas icin, ticari olarak temin edilebilen DRYCRYL™ DP-2903,
ELOTEX™ WR8600 ve ELOTEX™ FLEX8300 akrilik RDP'ler veya RHOPLEX ™ EI-

2000 akrilik polimeri iceren karsilastirmali boya formiilasyonlan lateks, yukarida
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ayrintilan  verilenlere aynmi Islak Asmma Direnci testlerine tabi tutuldu, sonuglan

asagidaki Tablo 7.6'da 6zetlendi:

Tablo 7.6; Karsilastirmali Islak Asinma Direnci sonuclari

SCRUB
Polimer badlayic 75°C /% 50 RH 4Q0°C /% 70 RH
EI-20001 polimer - 3.17+-0.31
DP-28031 tozu - 23.24 +- 6.66
WRB86002 tozu - 6.57+-1.44
FLEX8300 ™ ? toz - 17.89 +- 4.30

' Dow Chemical Company, ABD; EI-2000, bir Tg + 12 ° C'ye sahip bir% 100 akrilik polimer lateksidir; DP-
2903, Tg + 10 ° G olan% 100 akrilik bir RDP'dir; ve,

2 pkzoNobel Functional Chemicals Elotex AG, isvigre. WR 8600, bir biitil akrilat / metil metakrilat kopolimer
(Tg -2 ° C) gekirdek asamasi ve ABD Patenti No. 7,674,860'da tarif edilen isleme gdre yapilan bir katyonik
amin igeren kabuk asamasini igeren ¢ok asamall bir katyonik polimerden elde edilir; FLEX8300 ™, ABD
Patenti No. 7,674,860'a tarif edilen isleme gére retilen bir akrilik (ko) polimer RDP'den elde edilir.

Yukaridaki Tablo 7.6'daki sonuclar, bu bulusun dokulu boya formiilasyonlarinin, akrilik
lateks tozlari iceren geleneksel dokulu boya formiilasyonlan ile ve partikiiler, akrilik
latekslerle karsilastinldiginda kabul edilebilir 1slak asinma direnci  sagladigim
gostermektedir. Aslinda, bu bulusun boya formiilasyonlar, akrilik lateks tozlan iceren
geleneksel dokulu boya formiilasyonlarina gore 1slak siirtinmeyle asinma direncinde bir
lyilesme gostermektedir ve tercih edilen diizenlemelerde, dis bitiris bilesimlerinde
kullamim ic¢in dzel olarak tasarlanan sivi polimerlerden hazirlanan dokulu boyalar icin

gozlenene karsi bir direng temin etmektedir.
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